


XRF-1800
Máy quang phổ huỳnh quang t ia X-tán xạ bước sóng

Phân t ích phân bố nguyên tố tới  cấp độ  250µm-lần 
đầu t iên t rên thế giới !
Sử dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm công nghệ phân tích cục bộ nâng cao, công nghệ tiên 

phong của Shimadzu vào năm 1994, kết hợp với các chức năng cơ bản tuyệt vời, XRF-1800 

mang lại độ tin cậy, ổn định và độ nhạy đặc biệt. Với phần mềm điều khiển, phân tích và báo 

cáo toàn diện, XRF-1800 là một công cụ mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng trong hàng loạt ngành 

công nghiệp khác nhau.

Features

P.4Feature / Function

P.17Maintenance

P.14Software

P.18Specifications

P.27Laboratory Requirements

P.24Optional Accessories

1. World-first 250 µm mapping for wavelength dispersive analysis
     Optional sample observation by CCD camera.

2. Qualitative/quantitative analysis using higher-order X-rays [Patented]

3. Film thickness measurement and inorganic component analysis for high-polymer thin 
    films with the background FP method

4. Smart, small-footprint design
     Integrated construction of workstation, X-ray tube cooling system, vacuum pump, X-ray generator, and all other units.

5. 4 kW thin-window X-ray tube offers high reliability and long life

6. Tried-and-tested sample loading system [Patented]
     Rapid, stable sample transport system offering easy maintenance.

7. Ultra-fast scanning (300°/min.) for quick and easy qualitative/quantitative analysis

8. Shimadzu's expertise condensed into template and matching functions 

9. Full-featured, easy-to-use software

Applications
1. Electronics and Magnetic Materials

Semiconductors, magnetic optical discs, magnets, batteries, 
PCBs, condensers, etc.

2. Chemical Industry

Organic and inorganic products, chemical fibers, catalysts, 
paints, dyes, pharmaceuticals, cosmetics, cleansing agents, 
rubbers, toner, etc.

3. Petroleum and Coal Industry

Petroleum, heavy oils, lubricants, polymers, coal, cokes, etc.

4. Ceramics Industry

Cements, cement raw mix, ceramics, clinkers, limes, clays, 
glasses, bricks, rocks, etc.

5. Iron and Steel Industry

Contents

Pig irons, cast irons, stainless steels, low alloy steels, slugs, 
iron ores, ferroalloys, special steels, surface-treated steel 
plates, plating solutions, molding sands, etc.

6. Nonferrous Industry

Copper alloys, aluminum alloys, lead alloys, zinc alloys, 
magnesium alloys, titanium alloys, noble metals, etc.

7. Environmental Pollutants

Factory waste water, sea water, river water, airborne dust, 
industry waste, etc.

8. Agriculture and Food Industry

Soils, fertilizers, plants, foods, etc.

9. Paper and Pulp

Coated paper, talc, toner, ink, etc.



XRF-1800
Sequential  X-ray Fluorescence Spectrometer

World-first 250 µm Mapping!
Utilizing state-of-the-art technology, including enhanced local analysis technology, 

originally pioneered by Shimadzu in 1994, in conjunction with superb basic functions, the 

Lab Center XRF-1800 delivers exceptional reliability, stability, and sensitivity. With 

complete control, analysis and reporting software, the XRF-1800 is a powerful tool for 

applications in a wide range of industries.

Tính năng

P.4T ính năng

P.17Bảo trì

P.14Phần mềm

P.18Cấu hình

P.27Yêu cầu cài đặt

P.24Phụ kiện tùy chọn

1. Phân tích phân bố nguyên tố tới cấp độ 250µm lần đầu tiên trên thế giới cho các phép phân tích 
tán xạ bước sóng.
     Tùy chọn quan sát ảnh mẫu bằng CCD camera.

2. Phân tích định tính, định lượng sử dụng tia X bậc cao hơn [Đã được cấp bằng sáng chế]

3. Phân tích độ dày lớp mạ và thành phần chất vô cơ đối với các màng polymer mỏng bằng 
phương pháp FP nền.
4. Thiết kế thông minh, nhỏ gọn.
     Tất cả các bộ phận như hệ thống làm mát ống phóng tia X, bơm chân không, ống phóng tia X được tích hợp trong một hệ 
thống duy nhất.

5. Ống phóng tia X 4 kW  loại cửa sổ mỏng mang lại độ tin cậy và tuổi thọ cao.

6. Hệ thống nạp mẫu độc quyền [Đã được cấp bằng sáng chế]
     Nhanh chóng, ổn định, giúp bảo trì dễ dàng.

7. Quét cực nhanh (300°/phút) giúp phân tích định tính/định lượng nhanh chóng và dễ dàng.

8. Sử dụng các tính năng so khớp với thư viện có sẵn và các điều kiện mẫu.

9. Phần mềm đầy đủ chức năng, dễ sử dụng.

Các ứng dụng

1. Các vật liệu điện tử và từ tính

Chất bán dẫn, đĩa quang từ, nam châm, pin, bo mạch PCB, 
tụ điện, v.v.

2. Công nghiệp hóa học

Các sản phẩm hữu cơ và vô cơ, sợi hóa học, chất xúc tác, 
sơn, thuốc nhuộm, dược phẩm, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, cao 
su, mực, v.v.

3. Công nghiệp dầu khí

Dầu mỏ, dầu nặng, dầu nhờn, polyme, than đá, than cốc, v.v. 

4. Công nghiệp gốm sứ

Xi măng, hỗn hợp xi măng, gốm sứ, clinke, đá vôi, đất set, 
kính, gạch, đá, v.v.

5. Công nghiệp sắt thép

Nội dung

Gang, thép không gỉ, thép hợp kim thấp, phôi, quặng sắt, 
hợp kim sắt, thép đặc biệt, tấm thép được xử lý bề mặt, 
dung dịch mạ, cát đúc, v.v.

6. Công nghiệp luyện kim màu

Hợp kim đồng, hợp kim nhôm, hợp kim chì, hợp kim kẽm, 
hợp kim magie, hợp kim titan, kim loại quý, v.v.

7. Các chất gây ô nhiễm môi trường

Nước thải nhà máy, nước biển, nước sông, bụi trong không 
khí, chất thải công nghiệp, v.v.

8. Nông nghiệp và công nghệ thực phẩm

Đất, phân bón, cây trồng, thực phẩm, v.v.

9. Giấy và bột giấy

Giấy tráng, hoạt thạch, hộp mực, mực v.v.



Phân t ích phân bố nguyên tố cấp độ  250µm-lần 
đầu t iên t rên thế giới !

Phân t ích cục bộ

Ngoài hiệu suất phân tích dải rộng nổi bật của các thành phần 

trung bình trên đường kính phân tích 10 đến 30 mm thông 

thường, XRF-1800 có thể kết hợp phân tích cục bộ

được tiên phong bởi Shimadzu với XRF-1700 vào năm 1994. Khả 

năng này được tăng cường hơn nữa để cho phép phân tích ở

đường kính tối thiểu 500 µm (đường kính hiển thị 250 µm).
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[Tùy chọn quan sát mẫu bằng CCD camera ]
Khẩu độ 500 µm và một màn hình hiển thị dữ liệu mượt mà, đạt được khả năng 
phân tích ở cấp độ 250 µm. Kết quả phân tích thuyết phục hơn với CCD camera.

Sử dụng thước xác định vị trí (được cung cấp) và màn hình để 

chỉ định bất kỳ vị trí nào. Ngoài ra, vị trí phân tích có thể được 

chỉ định trên hình ảnh của mẫu được chụp bằng camera CCD.

Chọn vị trí phân tích bên trong 

đường kính 30 mm bằng cách 

nhấp chuột hoặc nhập tọa độ.

Căn chỉnh cốc mẫu để kiểm tra vị trí 

phân tích.

 Phân t ích vị  tr í  được chỉ định Nguyên tắc phân t ích cục bộ (Được 
cấp bằng sáng chế)

Cửa sổ chỉ định vị trí

Thước xác định vị trí

Đường kính phân tích: 30 mm ø.

x

θ r
y

Ống phóng tia X

Tia X sơ cấp

Xoay mẫu = chuyển 
động theo hướng 
 

Khẩu độ
= chuyển động 
theo hướng r

Khe sáng

Khe xác định hướng xoay

Thực hiện phân tích tại bất kỳ vị trí nào trong đường kính phân 

tích 30mm bằng cách sử dụng khẩu độ loại trượt độc đáo để 

điều khiển vị trí theo hướng r và xoay mẫu tới vị trí

Huỳnh quang tia X

Chuẩn bị: mài, ép, v.v.

Để kiểm tra sự không đồng nhất

Phân tích cục bộ

đường kính phân tích: 10 tới 30 mm đường kính phân tích: 500 µm tới 3 mm

  Mẫu đồng nhất    Mẫu hỗn hợp, mẫu không đồng nhất

Tiến hành phân tích định tính / định lượng 
hoặc định lượng tại một vị trí được chỉ định.

Kiểm tra cường độ tia X và thành phần của các 
nguyên tố cụ thể trên một khu vực được chỉ định. 
Nhiều nguyên tố có thể được phân tích..  

Phân tích vị trí được chỉ định Phân tích nguyên tố

Phương pháp thông thường (phân tích dải rộng)

Hạt thủy tinh Bột đóng bánh Thỏi, chất lỏng, 
giấy lọc, v.v.

Linh kiện 
điện tử

Đá Dạng thanh

Application Examples

Ba Ce

La Ca

The sample is the rare earth ore Bastnasite.
The red circle indicates the 30 mm-diameter 
mapping analysis areas.  
La and Ce show identical distributions but Ca 
and Ba exhibit different distributions, indicating 
that the sample contains at least three different 
minerals. 

250 µm display allows easy data comparison.

For content distribution and intensity distribution 

analyses of non-uniform samples.

Element Mapping Analysis

This example shows the designated-position analysis 
at Position 1 and Position 2 on the rare earth ore 
sample above.  
The superimposed display of qualitative analysis 
results indicates differences in elements other than 
the mapped elements at the two positions.
Quantitative analysis results obtained by the FP 
method, using these qualitative analysis results, 
indicate the composition at each position.

Excellent sensitivity for light elements and resolution of rare rare earth materials.

For the analysis of abnormal deposits, discoloration or other defects.

Designated-position Analysis

Position 2

30 mm ø

Position 1

The analysis position and image can be 

superimposed by importing an image after 

positioning the sample holder at the analysis 

chamber insertion position in the same way as 

at the sample analysis position. 

(Patented)

Position designation using the CCD camera

Qualitative analysis results Quantitative analysis results

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5

SO3

BaO
SrO
La2O3

CeO2

1.526
0.451
0.797

0.653
0.456
0.672
0.125

40.242
36.417
18.257

24.648
0.215
2.540
0.461
6.369

29.079

0.066
0.626

10.237
14.712

7.194
0.947
2.615

Compound Content (%)

Position1 Position2

CCD



World-first 250 µm Mapping!

Local Analysis

In addition to the outstanding wide-area analysis performance of 

the average components over the conventional 10 to 30 mm 

analysis diameter, the XRF-1800 incorporates the local analysis 

pioneered by Shimadzu with the XRF-1700 in 1994. These have 

been further enhanced to permit analysis over a minimum 

diameter of 500 µm (250 µm displayed diameter). 
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[Optional Sample Observation by CCD Camera Possible]
500 µm aperture and smooth data display achieve 250 µm mapping.
Adding the CCD camera produces even more convincing analysis results. 

Use the local analysis scale (supplied) and the display to 

designate any position. Alternatively, the analysis position can be 

designated on the image of the sample area taken with the 

optional CCD camera. 

Select the analysis position inside 

the 30 mm diameter by clicking 

with the mouse or by entering the 

coordinates.

Align with the sample holder to check the 

analysis position.  

Designating the Analysis Posit ionPrinciple of Local Analysis (Patented)

Position designation window

Local analysis scale

Sample analysis area: 30 mm ø.

x

θ r
y

X-ray tube

Primary X-rays

Sample rotation
= movement in
θ direction

Aperture
= movement in
r direction

Slit

Rotational direction 
reference slit

Perform analysis at any designated position within the 30 mm 

analysis diameter by using Shimadzu's unique slide-type aperture 

to control the position in the r direction and by rotating the sample 

to control the position in the θ direction.

X-ray fluorescence

Preparation: grinding, pressing, etc.

To investigate non-uniformities

Local analysis
analysis diameter: 10 to 30 mm analysis diameter: 500 µm to 3 mm

Uniform samples Compound samples,  non-uniform samples

Conducts qualitative/quantitative, or quantitative 
analysis at a designated position. 

Investigates the X-ray intensity and content of 
specific elements over a designated area.  
Multiple elements can be analyzed.  

Designated-position analysis Element analysis

Conventional method (wide-area analysis)

Glass beads Powder briquettes Ingots, liquids,
filter paper, etc.

Electronic
components

Rocks Rods

V í  dụ về  các ứng dụng

Ba Ce

La Ca

Mẫu bên là quặng đất hiếm Bastnasite.
Vòng tròn đỏ biểu thị khu vực phân tích ánh 
xạ có đường kính 30mm.
La và Ce phân bố giống hệt nhau nhưng 
Ca và Ba có sự phân bố khác nhau, cho 
thấy mẫu chứa ít nhất ba khoáng chất 
khác nhau.

Phân tích phân bố nguyên tố cấp độ 250 µm cho phép 
so sánh dữ liệu dễ dàng.

Cho phân bố hàm lượng và phân bố cường độ khi 

phân tích các mẫu không đồng nhất.

Phân t ích nguyên tố trên nhiều vị  tr í

Ví dụ này thể hiện việc phân tích vị trí được xác 
định tại Vị trí 1 và Vị trí 2 trên mẫu quặng đất hiếm ở 
trên.  
So sánh các kết quả phân tích định tính cho thấy 
sự khác biệt về các nguyên tố tại hai vị trí trên.  
Kết quả phân tích định lượng thu được bằng 
phương pháp FP, sử dụng các kết quả phân tích 
định tính trên, cho biết thành phần tại mỗi vị trí.

Độ nhạy tuyệt vời cho các nguyên tố nhẹ và các vật liệu đất hiếm.

Dành cho việc phân tích các tờ tiền bất thường, phai màu hay các hư hỏng khác.

Phân t ích vị  tr í  xác  định

Vị trí 2

30 mm ø

Vị trí 1

Vị trí phân tích và hình ảnh có thể được đặt 

chồng lên nhau bằng cách nhập hình ảnh 

sau khi định vị cốc chứa mẫu tại buồng 

phân tích. [Được cấp bằng sáng chế]

Chỉ định vị trí phân tích sử dụng camera

Kết quả phân tích định tính Kết quả phân tích định lượng

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5

SO3

BaO
SrO
La2O3

CeO2

1.526
0.451
0.797

0.653
0.456
0.672
0.125

40.242
36.417
18.257

24.648
0.215
2.540
0.461
6.369

29.079

0.066
0.626

10.237
14.712
7.194
0.947
2.615

Hợp chất Hàm lượng %            

Vị trí 1 Vị trí 2

CCD



Phân tích định tính/định lượng bằng cách sử
dụng tia X bậc cao (Được cấp bằng sáng chế)

 Cấu h ình t ia X  bậc cao  là  g ì?

Huỳnh quang tia X từ mẫu được tách ra thành các thành phần 

quang phổ bằng một tinh thể phân tích theo phương trình 

Bragg     2dsin  =n  và được đếm bởi bộ thu tín hiệu. Trong quá 

trính phân tách quang phổ, các vạch bậc cao hơn (n≥2, 3…) đi 

vào bộ thu tín hiệu ngoài các bước sóng tia X bậc một (n=1).

Trong nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của các tia X bậc cao, chì có 

các tia X trong vùng tia X bậc một trong đường cong phân bố 

chiều cao xung (trái) thường được tính toán.

Tuy nhiên, nếu các tia X bậc cao hơn có cường độ cao, ảnh 

hưởng của chúng không thể bị bỏ qua và chúng tạo thành các 

đỉnh chồng lên nhau xuất hiện trong cấu hình tia X bậc một, 

khiến cho không thể xác định chính xác các đỉnh hoặc đánh 

giá cường độ.

Do vậy, vùng tia X bậc cao hơn được đo là cấu hình tia X 

bậc cao hơn và vùng tia X bậc một được đo đồng thời.

Điều này cho phép so sánh cấu hình tia X bậc cao và cấu 

hình tia X bậc một để có thể dễ dàng nghiên cứu các ảnh 

hưởng của tia X bậc cao hơn.
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Có thể đo đồng thời tia X bậc một và tia X bậc cao hơn. Đánh giá chính xác hơn về tia X bậc cao dẫn 
đến độ chính xác và độ tin cậy cao hơn khi tiến hành phân tích định tính/định lượng.
Trong quá trình xử lý dữ liệu ngoại tuyến, cấu hình tia X bậc một và cấu hình tia X bậc cao hơn có thể 
được hiển thị độc lập hoặc chồng lên nhau, để hiển thị các tác động của tia X bậc cao trong nháy mắt.

Film Thickness Measurement and Inorganic Component Analysis for 
High-Polymer Thin Films with the Background FP Method (Patented)

The theoretical intensity of the Compton scattering line is used as the high-polymer thin film 
information for analysis.
Hydrogen information that cannot be analyzed with fluorescent X-rays can be calculated using the 
Compton scattering/Rayleigh scattering intensity ratio.

Application Examples

Đường cong phân bố chiều cao xung

Độ cao xung (voltage)

Vùng tia X 
bậc một

Vùng tia X 
bậc cao hơn

Cấu hình tia X bậc một

Cấu hình tia X bậc cao hơn

2θ góc

2θgóc

C
ư

ờ
n

g
 đ

ộ
 t
ia

 X

C
ư

ờ
n

g
 đ

ộ
 t
ia

 X
C

ư
ờ

n
g

 đ
ộ

 t
ia

 X

So  sánh các cấu h ình t ia X  bậc một và  t ia X  bậc cao

     MgK    và CaK  bậc ba chồng lên profile tia X bậc một.

  The CaKα   CdK   bậc ba có cường độ mạnh hơn, bởi vì các tia X bậc cao hơn được tăng cường trong cấu hình tia X bậc cao hơn.

          Màu xanh biểu thị tia X bậc một, màu đỏ biểu thị tia X bậc cao hơn    Mẫu: má phanh

Analysis of capacitor f i lm

No.1
No.2
No.3
No.4

5.7
12.5
15.0
21.0

No.1
No.2
No.3
No.4

10.4
16.8
17.1
28.6

16.9
16.0
12.6
15.9

15.1
16.5
16.7
17.8

4.72
3.40
3.26
3.08

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
Al
Zn

Polyester
(C10H8O4)n

Polyester

Polyester
(C10H8O4)n

Si

—
Al
Zn

Si

30.2
28.0
27.8
26.3

—
2.70
7.14

2.35g/cm3

—
2.70
7.14

2.35g/cm3

1.39

1.39

3.11
2.88
2.90
2.82

Clear

No.1

No.2

Sample Layer

Layer 1

Layer 1

Layer 2

Layer 3

Layer 2

Layer 3

Element Density
Quantitative

analysis

thickness

thickness

thickness
content
content

thickness

thickness

thickness
content
content

X-ray
quantitative value

10Å

246Å
2.37%

balanced

6.3 µm

5Å

230Å
2.30%

balanced

6.3 µm

Coating thickness

Coating

RhKα Compton scattering, AlKα, SiKα, ClKα

RhKα Compton scattering

Al, Si, Cl, acrylic (C3H4O2)

Zn

Fe

ZnKα

Zn plating

Sheet steel

Film thickness
(µm)

Al
(%)

Si
(%)

Cl
(%)

C3H4O2
Film thickness

(µm)

Zn plating

balanced

balancedMetallic
(gloss)

Sample

SiKα

Si

Al·Zn

AlKα, ZnKα

Analysis of coated metal sheet

Background FP is a method that adds scattered (background) X-ray intensity calculations to 

the fluorescent X-ray (net peak) intensity calculations of the conventional FP method. 

The film thickness of a high-polymer film sample can be measured by calculating the X-ray 

intensity of one type of scattered X-rays, the RhKα Compton scattered X-rays, because the 

Compton scattering intensity is inversely proportional to the sample density and directly 

proportional to the sample thickness. 

Examples of applied samples

Magnetic tape

Magneto-optical disk

Wrapping film

Coated metal sheet

Fe2O3

High polymer

High polymer

Co,Cr

CI, high polymer

T i

Al (base metal)

High polymer

Cr

Ni,Zn

Fe (base metal)

2θ angle

RhKα
Rayleigh scattered X-rays RhKα

Compton scattered X-rays

Element peak in sample

Fluorescent X-rays (net peak)

Scattered X-rays (background)

X-ray spectral distribution

X
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ay
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Qualitative/Quantitative Analysis Using 
Higher-order X-rays (Patented)

What is a higher-order X-ray profi le?

X-ray fluorescence from the sample is separated into spectral 

components by an analyzing crystal according to the Bragg's 

equation (2dsinθ=nλ) and counted by the detector. During spectral 

separation, higher-order lines (n≥2, 3…) enter the detector in 

addition to the target first-order X-ray wavelengths (n=1).  

In an attempt to eliminate the effects of the higher-order X-rays, 

only X-rays within the first-order X-ray region in the pulse-height 

distribution curve (left) are normally counted.  

However, if the higher-order X-rays have a high intensity, their 

effect cannot be ignored and they form superimposed peaks that 

appear in the first-order X-ray profile, making it impossible to 

correctly identify the peaks or evaluate intensity.

Therefore, the higher-order region X-rays are measured as the 

higher-order X-ray profile and the first-order region X-rays are 

simultaneously measured as the first-order X-ray profile. This 

enables comparison of the higher-order X-ray profile and 

first-order X-ray profile so that the effects of the higher-order 

X-rays can be easily investigated.
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Máy quang phổ huỳnh quang t ia X-tán xạ bước sóng

The normal first-order X-ray profile and higher-order X-ray profile can be measured simultaneously.  
More accurate evaluation of higher-order X-rays leads to greater accuracy and reliability when 
conducting qualitative/quantitative analysis.
During off-line data processing, the first-order X-ray profile and higher-order X-ray profile can be 
displayed independently or superimposed, to show the effects of the higher-order X-rays at a glance. 

Đo độ dày lớp mạ và phân tích thành phần vô cơ trong polyme 
cao phân tử với phương pháp nền FP (Được cấp bằng sáng chế) 

Cường độ lý thuyết của dòng tán xạ Compton được sử dụng làm thông tin về polyme cao phân tử 
để phân tích.
Nguyên tố Hidro không thể phân tích bằng huỳnh quang tia X có thể được tính bằng tỷ lệ cường độ tán 
xạ Compton/Rayleigh.

Các ứng dụng mẫu

Pulse-height distribution curve

Pulse height (voltage)

First-order
X-ray region

Higher-order
X-ray region

First-order X-ray profile

Higher-order X-ray profile

2θ angle

2θ angle

X
-r

ay
 in
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ity

X
-r

ay
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ity
X

-r
ay
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ity

Comparison of f irst-order X-ray and higher-order X-ray profi les

The MgKα and CaKα third-order lines overlap on the first-order X-ray profile.  

The CaKα third-order lines are displayed more intensely, because the higher-order X-rays are intensified in the higher-order X-ray profile.

 Blue indicates first-order lines, red indicates higher-order X-ray lines     Sample: brake pad

Phân t ích tụ điện màng

No.1
No.2
No.3
No.4

5.7
12.5
15.0
21.0

No.1
No.2
No.3
No.4

10.4
16.8
17.1
28.6

16.9
16.0
12.6
15.9

15.1
16.5
16.7
17.8

4.72
3.40
3.26
3.08

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
Al
Zn

Polyester
(C10H8O4)n

Polyester

Polyester
(C10H8O4)n

Si

—
Al
Zn

Si

30.2
28.0
27.8
26.3

—
2.70
7.14

2.35g/cm3

—
2.70
7.14

2.35g/cm3

1.39

1.39

3.11
2.88
2.90
2.82

Trong suốt

No.1

No.2

Mẫu Lớp

Lớp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 2

Lớp 3

Nguyên tố Tỉ trọng
Phân tích 

định lượng

độ dày

độ dày

độ dày
hàm lượng
hàm lượng

độ dày

độ dày

độ dày
hàm lượng
hàm lượng

Giá trị định 
lượng tia X

10Å

     246Å
   2.37%

phần còn lại

6.3 µm

5Å

     230Å
  2.30%

phần còn lại

6.3 µm

Độ dày lớp mạ

Lớp mạ

RhKα tán xạ Compton,     AlK , SiK , ClK

RhK    tán xạ Compton

Al, Si, Cl, acrylic (C3H4O2)

Zn

Fe

ZnKα

Mạ Zn

Tấm kim loại

Độ dày (µm) Al
(%)

Si
(%)

Cl
(%)

C3H4O2
Độ dày (µm)

Mạ Zn 

phần còn 
lại

phần còn 
lại

Kim loại
(mài bóng)

Mẫu

SiKα

Si

Al·Zn

AlKα, ZnKα

Phân t ích lớp mạ  trên tấm kim loạ i

Nền FP là phương pháp bổ sung tính toán cường độ tia X phân tán (nền) cho các tính 

toán cường độ huỳnh quang tia X (net) của phương pháp FP thông thường.

Độ dày mẫu màng polyme cao phân tử có thể được đo bằng cách tính cường độ tia X 

của một loại tán xạ tia X,                             RhK  dòng tán xạ Compton, vì cường độ 

tán xạ Compton tỉ lệ nghịch với mật độ mẫu và tỉ lệ thuận với độ dày của mẫu.

Ví dụ về các mẫu được áp dụng

Băng từ

      Đĩa quang từ

Màng bọc

Tầm kim loại được mạ

Fe2O3

Polyme cao phân tử

Polyme cao phân tử

Co,Cr

CI, Polyme cao phân tử

T i

Al (nền kim loạil)

Polyme cao phân tử

Cr

Ni,Zn

Fe (nền kim loại)

2    Góc

RhKα
Tán xạ Rayleigh RhKα

Tán xạ Compton

Đỉnh của nguyên tố trong mẫu

Huỳnh quang tia X (net)

Tán xạ tia X (nền)

Phân bố quang phổ tia X

C
ư

ờ
n

g
 đ

ộ
 t
ia

 X



Các chức năng cơ bản tuyệt vời

Ống phóng t ia X  4kW  loạ i  cửa sổ  mỏng
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Sequential X-ray Fluorescence Spectrometer

XRF-1800 có độ nhạy tăng cường đáng kể do một hệ thống quang học được thiết kế theo tính toán tốt 
nhất. Điều khiển đa phần cứng, như thay thế tinh thể và điều khiển giác kế, được tiến hành đồng thời 
và nhanh chóng. Những chức năng cơ bản này đáp ứng nhiều yêu cầu phân tích khác nhau.

Hệ thống này trang bị ống phóng tia X có độ tin cậy cao với tuổi 

thọ trung bình trên 5 năm. Độ nhạy cao hơn gấp đôi với các 

nguyên tố nhẹ so với các ống phóng tia X 3kW thông thường.

Principle and Construction

When the sample is irradiated by X-rays from the X-ray tube, the 

component atoms of the sample emit further X-rays, which radiate 

outside the sample. These X-rays, known as X-ray fluorescence, 

have a wavelength that is characteristic of the element.  

Consequently, investigation of the X-ray wavelength allows 

qualitative analysis of the sample. Also, as the fluorescent X-ray 

intensity is proportional to the concentration of the element, 

quantitative analysis is possible by measuring the X-ray intensity at 

the characteristic wavelength of each element.

Bộ lọc
(5  loạ i  bộ lọc t ia X  chính)

Ống phóng tia X 4kW loại cửa sổ mỏng, độc quyền của 

Shimadzu và bộ tạo tia X với dòng điện 140mA được lắp 

đặt tiêu chuẩn để tăng độ nhạy cho tất cả các nguyên tố.

Độ nhạy với Be và các nguyên tố nhẹ khác được cải 

thiện đáng kể.

 5 loại bộ lọc tia X chính được cài đặt tiêu chuẩn. Điều này cho 

phép phân tích các thành phần thấp bằng cách giảm tín hiệu 

đặc trưng, tia X liên tục và tia X phân tán từ ống phóng.

Chọn chân không high / low  và 
môi trường không khí

Hiệu quả cho việc phân tích bột dễ vỡ hoặc màng mỏng

Bộ ổn định  chân không
Một bộ ổn định chân không được cài đặt để tăng cường khả

năng tái tạo cho các nguyên tố nhẹ. Là loại đầu tiên trên thế

giới, được Shimadzu phát triển cho Máy quang phổ huỳnh 

quang tia X.

Hệ  thống quang học mớ i
Giảm khoảng cách từ ống phóng tia X đến mẫu và khoảng 

cách từ mẫu tới khẩu độ và khe sáng chính giúp tăng độ 

nhạy gấp 2 lần cho tất cả các nguyên tố (so với các mẫu 

trước đó).

Môi trường phân t ích  He l i
( tùy chọn)

Sử dụng khi phân tích mẫu lỏng.

Đảm bảo làm sạch không khí nhanh hơn, đáng tin 

cậy hơn.

K iểm soát nhiệ t  độ chính xác
Bộ điều khiển nhiệt độ chính xác cao giúp duy trì nhiệt độ 

bên trong thiết bị ở 35 ±0.3˚C.

Aperture changer (5 apertures)   

(Patented)

The five uniquely shaped apertures (500 µm, 3, 10, 20, 30 mm 

θ.) permit sensitive analysis of small-diameter samples. Optional 

sample masks are available to suit the apertures. 

Vacuum stabil izer
Ten analyzing crystals (elements) can be mounted to handle all 

elements from ultra-light elements to heavy elements.  

Bi-direction rotation achieves rapid changeover in the minimum 

time possible.

θ-2θ independently driven
goniometer

As the analyzing crystals and detectors can be freely combined, 

LiF-SC (Ti to U) and LiF-FPC (K to V) combinations can be 

achieved with the single standard LiF.

The offset between the analyzing crystal and detector is 

adjusted automatically to set the optimal diffraction conditions.  

Stable drive system with excellent stopping position 

repeatability.

Slit  changer (3 sl it  types)
Three slit types are installed in the instrument: standard slits, 

high-resolution slits for ultra-light elements, and high-sensitivity 

slits to eliminate superimposition of spectra. 

Attenuator changer
Reduces the sensitivity to about 1/10 for the analysis of 

high-concentration samples when the count exceeds the linear 

counting range.

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

60 65 70 85

      Tinh thể
SX-410 (tùy chọn)

Ống phóng tia X 
Rh 4kW loại cửa 
sổ mỏng
30 kV, 130 mA

Ống phóng tia X 
Rh 4kW loại cửa 
sổ mỏng
30 kV, 100 mA
( đầu ra 3 kW)

Ống phóng tia 
X 3kW
30 kV, 100 mA

So sánh phổ  BeK với từng loại ống phóng

2θ [deg.]

C
ư
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n

g
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ộ
 t
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 h

iệ
u

Zr

Ni 

Ti

Al

OUT

Rh

Rh, Cr

Cr

Rh

RhKα − CdKα

ZnKα − AsKα, PbLα, BiLα

CrKα − FeKα

RhLα, CdLα

Bộ lọc Ống phóng Phổ ảnh hưởng

Scintillation counter

Proportional
counter

Slit changer
 (3 slits)

Attenuator changer 4 kw thin-window X-ray tube

Aperture changer
 (5 apertures)

Bi-directional crystal exchanger
 (10 crystals)

Sample loading unit 
(swing-arm type and with
 sample lift system)

8-sample turret

Filter changer
(5 primary X-ray filter types)

8075



Superb Basic Functions

4kW thin-window X-ray tube
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Máy quang phổ huỳnh quang t ia X-tán xạ bước sóng

LAB CENTER achieves significantly enhanced sensitivity due to an optical system designed 
according to theoretical calculations. Multiple hardware controls, such as crystal replacement and 
goniometer control, are conducted simultaneously and rapidly. These excellent basic functions 
meet a variety of analytical needs. 

The system features a highly reliable X-ray tube with an average life 

exceeding five years. It achieves more than double the sensitivity to 

light elements compared to conventional 3 kW X-ray tubes. 

Nguyên lý  và  cấu trúc

Khi mẫu được chiếu xạ bởi tia X từ ống phóng tia X, các nguyên 

tử trên mẫu phát ra thêm tia X bên ngoài mẫu. Đó là huỳnh 

quang tia X, có bước sóng đặc trưng cho từng nguyên tố. Do 

đó, việc tính toán bước sóng cho phép 

phân tích định tính mẫu. Ngoài ra, cường độ huỳnh quang tia X 

tỉ lệ thuận với nồng độ nguyên tố, do vậy có thể phân tích định 

lượng bằng cách đo cường độ tia X với bước sóng đặc trưng 

của từng nguyên tố.

Filter changer 
(5 primary X-ray fi lter types)

Shimadzu's unique 4 kW thin-window X-ray tube and 140 mA 

high-current X-ray generator are installed as standard to 

enhance sensitivity to all elements.  

The sensitivity to Be and other light elements is dramatically 

improved by approximately a factor of two.  

Five types of primary X-ray filters are installed as standard. These 

allow trace analysis by reducing characteristic X-rays, continuous 

X-rays, and impure scattered X-rays from the X-ray tube.

Select high/low evacuation and 
air  purge rates

Effective for the analysis of fragile powders or thin films.

Vacuum stabil izer
A vacuum stabilizer is installed to enhance reproducibility for 

light elements. The first of its type in the world, it was originally 

developed by Shimadzu for the Simultaneous X-ray 

Fluorescence Spectrometer.

New optical  system design
Reducing the distance from the X-ray tube to the sample and 

the distances from the sample to the aperture and the primary 

slit enhances sensitivity to all elements by approximately a 

factor of 2 (compared to previous models).

He purging (optional)
Used for the analysis of liquid samples.

Newly developed purger ensures faster, more reliable 

atmosphere purging. 

Accurate temperature control 
Highly accurate temperature controller maintains the interior of 

the unit at 35 ±0.3˚C. 

Bộ thay đổ i  khẩu độ (5  khẩu 
độ)   (Được cấp bằng sáng chế)

5 khẩu độ khác nhau                    (500 µm, 3, 10, 20, 30 mm 

.) cho phép phân tích các mẫu có đường kính nhỏ. Tùy 

chọn mặt nạ cho mẫu, phù hợp với từng khẩu độ.

Bộ ổn định chân không
10 tinh thể phân tích (các nguyên tố) có thể được gắn để xử 

lý tất cả các nguyên tố từ siêu nhẹ đến các nguyên tố nặng. 

Bộ xoay hai chiều giúp thay đổi nhanh chóng trong thời gian 

ngắn.

θ-2θ giác  kế  truyền  động
độc  lập

Vì các tính thể và bộ thu tín hiệu được kết hợp tự do, sự kết 

hợp giữa LiF (Ti tới U) và LiF (K tới V) có thể sử dụng duy 

nhất LiF.

Giá trị offset giữa tinh thể và bộ thu tín hiệu được điều chỉnh 

tự động để đạt các điều kiện nhiễu xạ tối ưu.  

Hệ thống truyền động ổn định với độ lặp lại tuyệt vời.

Bộ thay đổ i  khe sáng (3  khe 
sáng)

 Ba khe sáng được cài đặt trong máy: khe tiêu chuẩn, khe có 

độ phân giải cao cho các nguyên tố nhẹ, khe có độ nhạy cao 

để loại bỏ sự chồng phổ.

Bộ  suy hao
Giảm độ nhạy xuống 1/10 để phân tích các mẫu có nồng độ 

cao khi vượt quá phạm vi đếm tuyến tính.

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

60 65 70 85

Analyzing crystal
SX-410 (optional)

4 kW thin-window
Rh X-ray tube
30 kV, 130 mA

4 kW thin-window
Rh X-ray tube
30 kV, 100 mA
(at 3 kW output)

3 kW Rh X-ray
tube
30 kV, 100 mA

Comparison of BeKα spectra for various X-ray tube types

2θ [deg.]

Re
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e 
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ns
ity

Zr

Ni 

Ti

Al

OUT

Rh

Rh, Cr

Cr

Rh

RhKα − CdKα

ZnKα − AsKα, PbLα, BiLα

CrKα − FeKα

RhLα, CdLα

Filter X-ray tube Effective spectra

Bộ đếm nhấp nháy

Bộ đếm tỷ lệ
Bộ thay đổi khe sáng 

(3 khe sáng)

Bộ suy hao Ống phóng tia X 4 kw loại cửa sổ mỏng

Bộ thay đổi khẩu độ 
(5 khẩu độ)

Bộ thay đổi tinh thể hai chiều
 (10 tinh thể)

Bộ nạp mẫu (loại tay đòn 
và hệ thống nâng mẫu)

Mâm xoay 8 mẫu

Bộ lọc (5 tấm lọc)

8075



Hệ thống nạp mẫu tuyệt vời (Được cấp bằng sáng chế)
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Detector and Counter Circuits Offer Excellent Long-term
Stability and Extract Maximum X-ray Tube Performance

Detector and counter circuits achieve superior long-term stability and low gas flow due to the 
highly accurate gas density stabilizer.
Automatic sensitivity control (ASC) fully exploits the 4 kW thin-window X-ray tube performance 
across the range from trace elements to major components.

Mâm  xoay  8 mẫu  cho  hiệu  suất  cao

Quá trình chuyển mẫu diễn ra ở phía dưới mâm xoay, cho phép 

quá trình diễn ra an toàn mà không làm dừng hoạt đông. 

Mâm xoay có thể xoay theo một trong hai hướng để di chuyển 

tới vị trí mẫu trong thời gian ngắn.

Bộ nạp mẫu tự động 40 mẫu (ASF-40) cho phép phân tích số 

lượng mẫu lớn.

Nạp  mẫu  nhanh  bằng  tay  đòn
và  cơ  chế  nâng

Cơ chế truyền động đơn giản, đáng tin cậy.

Di chuyển mẫu từ mâm xoay đến vị trí phân tích chỉ trong hai 

chuyển động: chuyển động thẳng đứng và chuyển động xoay.

Vi cơ chế xoay nằm ngoài buồng phân tích, cốc giữ mẫu không 

bao giờ di chuyển ngang qua buồng chân không.

Cốc giữ mẫu
Cơ chế nâng mẫu đạt được độ lặp lại tuyệt vời.

Cốc giữ mẫu cho phân tích cục bộ kết hợp một khe tham 

chiếu để đặt chính xác hướng của mẫu (Bằng sáng chế)

Buồng  hú t  chân  không
Buồng hút chân không được trang bị khóa không khí, nhỏ 

gọn, có thể hút chân không nhanh chóng.

Scinti l lation counter (SC)
The SC is located inside the evacuated spectrometer to eliminate 

absorption by air and the spectrometer materials. The short 

optical path achieves high sensitivity. Also the vacuum 

environments prevent the degradation of the scintillator (NaI).

Proportional counter (FPC)
The FPC window is made of a long-life high-polymer film. The 

cassette system allows simple replacement without detriment to 

optical system reproducibility. 

The highly accurate, electronically controlled gas density stabilizer 

lowers running costs by reducing the PR gas flow rate to 5 

mL/min. and requires no filament cleaning or other mechanisms. 

It is timer controlled at instrument startup and shutdown. 

The low PR gas flow rate eliminates almost all filament 

contamination. The cartridge system allows easy replacement 

after a long period of use.

Automatic Sensitivity Control
(ASC) System (Patented)

The detector system misses counts in the spectral lines of major 

component elements during 4 kW full-power analysis, such that 

split peaks occur and the original intensity cannot be obtained.  

In such cases, the Automatic Sensitivity Control (ASC) system 

automatically sets the attenuator or reduces X-ray tube current 

in the region where miscounting occurred, and repeats analysis 

in the linear counting range. The re-analyzed X-ray intensities 

are sensitivity compensated and synthesized on the display. 

The ASC system measures the major component spectral lines in 

the sensitivity region where linearity is guaranteed. Other 

elements and trace elements are analyzed at 4 kW full power to 

obtain accurate X-ray intensity and qualitative analysis results. 

Consequently, quantitative FP analysis based on this data also 

yields accurate quantitative results. 

High counting rate
The wide linearity range and the peak-shift compensation function 

achieve more accurate analyses.

Cơ chế cánh tay đòn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nạp mẫu từ mâm xoay

1

25
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   Mâm xoay   Buồng phân tích

Chuyển  động  của  cơ  chế  tay  đòn

Cơ chế nâng mẫu

Màng che mẫu Rotor định vị
Mặt tham 
chiếu

Màn 
trập 
chân 

không

Buồng rút 
chân không

Cánh tay đòn

Mẫu

Cốc giữ mẫu đi vào buồng rút chân không.

Cánh tay đòn di chuyển buồng rút chân không vào vị trí phân tích bằng một chuyển động 

duy nhất.

 Khi quá trình rút chân không hoàn tất, màn trập chân không mở ra và cốc giữ mẫu được 

nâng lên vị trí nâng mẫu.

Cốc giữ mẫu đi vào buồng rút chân không sau khi phân tích xong.

Sau khi màn trập chân không đóng lại và không khí xung quanh lấp đầy buồng rút 

chân không, cánh tay đòn di chuyển buồng đến mâm xoay.

Cốc giữ mẫu lại tiếp tục di chuyển vào mâm xoay từ buồng rút chân không.

Vị trí 
nâng mẫu

Cốc giữ 
mẫu

Cơ chế 
nâng

Relationship between PR gas flow rate and filament contamination

Filament contamination

Time

Contamination limit for analysis

40 mL/min

5 mL/min

Application example for the FeKa of low alloy steel

Qualitative/quantitative analysis example

Mn
P
Cu
Ni
Cr
Mo
Ti
Fe

0.113
0.012
0.033
0.051
0.011
0.011
0.057

99.593

0.142
0.019
0.051
0.057
0.023
0.017
0.084

99.305

1.717
0.254
0.499
0.609
0.299
0.178
0.917

91.056

Standard value With ASC Without ASC

(kcps)

2θ (deg)

Automatic reanalysis region

-
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 [Hệ  thống  tay  đòn  của  Shimadzu  giúp  loạ i  bỏ  các  vấn  đề  khi  nạp  mẫu . ]

Ngay cả khi một mẫu bột vô tình bị vỡ và rơi vào buồng trước khi rút chân không nó cũng không làm 
bẩn buồng phân tích.
Quá trình rút chân không về phía nạp mẫu cho phép làm sạch trong khi bật nguồn.



Tried-and-tested Sample Loading System (Patented)
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Máy quang phổ huỳnh quang t ia X-tán xạ bước sóng

Bộ thu tín hiệu và mạch đếm cung cấp sự ổn định lâu
dài và đảm bảo hiệu suất tối đa của ống phóng tia X 

Bộ thu tín hiệu và mạch đếm đạt được sự ổn định lâu dài vượt trội và lưu lượng khí thấp do bộ ổn 
định mật độ khí có độ chính xác cao.
Bộ điều khiển độ nhạy tự động (ASC) khai thác triệt để hiệu suất của ống phóng tia X 4kW loại cửa 
sổ mỏng trên phạm vi từ các nguyên tố vi lượng đến các nguyên tố chính.

Eight-sample turret for high productivity

Sample changeover occurs in the lower part of the turret to allow 

safe sample changeover at any time without stopping operation. 

The turret can rotate in either direction to move to the changeover 

position in the minimum time possible. 

The optional 40-sample auto sample feeder (ASF-40) permits the 

analysis of a large number of samples.

Rapid loading by swing arm and 
l ift ing mechanism

Simple and reliable drive mechanism with few drive axes.

Sample travels from the turret position to the analysis position in 

just two movements: a vertical movement and a swing movement.

As the swing mechanism is external to the analysis chamber, the 

sample holder never moves laterally through the vacuum. 

Sample holder
The sample lifting mechanism achieves excellent repeatability.

Sample holders for local analysis incorporate a reference slit to 

correctly set the sample orientation. (Utility model patent)

Pre-evacuation chamber
The small, airlock-equipped, pre-evacuation chamber can be 

quickly evacuated to achieve rapid pre-evacuation.

Bộ  đếm  nhấp  nháy  (SC)
Bộ SC được đặt trong buồng chân không của máy quang phổ 

để loại bỏ sự hấp thụ bởi không khí và vật liệu của máy 

quang phổ. Đường quang học ngắn giúp đạt độ nhạy cao. 

Ngoài ra, môi trường chân không ngăn sự xuống cấp của bộ 

đếm (NaCl)

Bộ  đếm  tỷ lệ  (FPC)

Cửa sổ FPC được làm bằng màng polyme cao phân tử có tuổi 

thọ cao. Hệ thống cassette cho phép thay thế đơn giản mà không 

ảnh hưởng đến khả năng tái tạo hệ thống quang.

Bộ ổn định mật độ khí được điều khiển điện tử có độ chính xác cao 

giúp giảm chi phí vận hành bằng cách giảm tốc độ dòng khí PR 

xuống 5mL/phút và không yêu cầu làm sạch dây tóc hoặc các cơ 

chế khác. Đó là bộ timer được điều khiển khi khởi động và tắt máy.

Tốc độ dòng khí PR thấp giúp dây tóc sạch hoàn toàn. Hệ 

thống cattrige cho phép thay thế dễ dàng sau một thời gian dài 

sử dụng.

Hệ  thống đ iều kh iển  độ  nhạy  tự 
động (ASC )  (Được cấp bằng sáng chế)

Bộ thu tín hiệu đếm thiếu các vạch phổ của các nguyên tố 

chính trong quá trình phân tích tại 4kW, như vậy các đỉnh bị 

chia tách và cường độ ban đầu không thể đạt được. Trong 

trường hợp như vậy, hệ thống ASC sẽ tự động đặt bộ suy 

hao hoặc giảm dòng điện của tia X trong khu vực có sai lệch 

và phân tích lặp lại trong dải đếm tuyến tính. Cường độ tia X 

được phân tích lại được bù độ nhạy và tổng hợp lại.

Hệ thống ASC đo các vạch phổ các nguyên tố chính trong 

vùng nhạy nơi tuyến tính được đảm bảo. Các nguyên tố khác 

và nguyên tố vi lượng được phân tích ở công suất tối đa 4kW 

để có được kết quả phân tích định tính và cường độ tia X 

chính xác. Do đó, phân tích định lượng FP dựa trên dữ liệu 

này cũng mang lại kết quả định lượng chính xác.

Tỷ lệ  đếm cao

Phạm vi tuyến tính rộng và chức năng bù dịch chuyển cực đại 

giúp đạt được các phân tích chính xác hơn.

Swing-arm mechanism

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Loaded on turret

1
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Turret sideAnalysis side

Movements of the swing-arm mechanism

Sample lifting mechanism

Sample mask Positioning rotor

Reference
plane

Vacuum
shutter

Pre-evacuation
chamber

Swing arm

Sample

The sample holder descends into the pre-evacuation chamber.

The swing-arm mechanism moves the pre-evacuation chamber to the analysis 

side in a single movement.

When pre-evacuation is complete, the vacuum shutter opens and the sample 

holder is lifted to the sample raised position.  

The sample holder descends into the pre-evacuation chamber after analysis is complete.

After the vacuum shutter closes and ambient air fills the pre-evacuation 

chamber, the swing-arm mechanism moves the pre-evacuation chamber to the 

turret side in a single movement.

The sample holder moves back into the turret from the pre-evacuation chamber.  

Sample
raised

position

Sample
holder

Lifting
mechanism

Mỗi liên hệ giữa tốc độ dòng khí PR và dây tóc bị nhiễm bẩn

Dây tóc nhiễm bẩn

Thời gian

Giới hạn chất độc hại để phân tích

40 mL/min

5 mL/min

Ví dụ với FeKa trong thép hợp kim thấp

Ví dụ về phân tích định tính/định lượng

Mn
P
Cu
Ni
Cr
Mo
Ti
Fe

0.113
0.012
0.033
0.051
0.011
0.011
0.057

99.593

0.142
0.019
0.051
0.057
0.023
0.017
0.084

99.305

1.717
0.254
0.499
0.609
0.299
0.178
0.917

91.056

Giá trị chuẩn Với ASC Không ASC

(kcps)

2θ (deg)
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-
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a
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 [Shimadzu's unique swing-arm system eliminates transport problems.]
Even when a powder sample accidentally breaks and overflows into the pre-evacuation chamber, it 
does not contaminate the evacuated analysis chamber.   
Returning the pre-evacuation chamber to the sample loading side allows cleaning of the 
pre-evacuation chamber while the power is turned on.



Quét cực nhanh (300°/phút) giúp phân tích đính
tính/định lượng dễ dàng
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Shimadzu’s Expertise Condensed into
Template and Matching Functions

Hoạt động đơn giản, nhanh chóng

Phân  t ích  mẫu đơn  giản

Các thao tác đơn giản để xác định định tính tất cả các nguyên 

tố (Be tới U) (*) và phân tích định lường bằng phương pháp 

FP, không yêu cầu mẫu chuẩn.

Phân t ích  định t ính /  
đ ịnh lượng cực nhanh

  Chức năng định tính cực 

nhanh (300°/phút). Cho phép xác 

định định tính các nguyên tố từ 

Be tới U và định lường bằng 

phuong pháp FP trong 2,5 phút.

Template Conditions
Optimal conditions can be created based on prepared 

conditions for sample forms including liquids, powders, solids, 

metals, and oxides.

Help information for creating conditions appears on each 

template to ensure error-free operation. 

Four matching functions

Template Conditions and comprehensive matching functions simplify setting of conditions and 
analysis operations.

Quy trình phân tích đơn giản
Click vào vị trí mong muốn phân tích trên mâm xoay.

Xác định định tính tất cả các nguyên tố và phân tích định lượng bằng phương pháp 

FP. Các điều kiện có thể được chọn để phù hợp với dạng hỗn hợp, dạng mẫu và thời 

gian phân tích.

Phân tích định tính các nguyên tố nặng (Ti tới U)

Phân tích định lượng các nguyên tố nhẹ (Be tới Sc)

Hiển thị kết quả của phương pháp FP và phân tích 

định lượng 

1.

2.

3.

2.5(min)

20(sec)

1

2

3

Ví dụ phân tích định tính/định lượng
Biểu đồ thời gian 

phân tích

Kết quả phân tích định tính trên thủy tinh

Hợp chất Kết quả Proc-Calc

Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP

72.8510%
12.0833%
7.1260%
5.0228%
1.6959%
0.5542%
0.4541%
0.1128%
0.0459%
0.0430%
0.0110%

SiO2
Na2O
CaO
MgO
AI2O3
K2O
P2O5
Fe2O3
TiO2
MnO
ZrO2

Si Ka
Na Ka
Ca Ka
MgKa
Al Ka
K Ka
P Ka

Fe Ka
Ti Ka

MnKa
Zr Ka

1728.946
50.450

448.911
32.835
47.785
44.969
14.287
14.156
0.928
3.488
9.972

7.307
0.389
1.854
0.859
3.544
1.003
1.178
1.351
0.169
0.851

15.385

Line Net BG

Kết quả định lượng

 (*)  Các tinh thể tùy chọn dành cho phân tích các nguyên tố từ Be tới N.

1.

2.

3.

4.

Determination of different sample

Classification of sample

Determination of sample

Search best match

The unknown sample is compared to reference sample values to 

evaluate if they are of the same kind.

The element reference values and tolerances for multiple samples 

are stored and used to identify the unknown sample.

The element content range for multiple samples are stored and 

used to identify the unknown sample.

Reference values for multiple samples are stored and the sample 

with the reference value with the smallest difference to the 

unknown sample is found. 

Example matching calculation results



Ultra-fast Scanning (300°/min.) Offers 
Quick and Easy Qualitative/Quantitative Analysis
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Máy quang phổ huỳnh quang t ia X-tán xạ bước sóng

Các điều kiện có sẵn và tính năng so khớp với thư 
viện kết quả

Simple operations rapidly yield analysis results

Simple analysis
Simple operations for the qualitative identification of all elements 

(Be to U) (*) and quantitative analysis by the FP method that 

requires no standard samples.

Ultra-fast qualitative/
quantitative analysis

Ultra-fast qualitative function 

(300°/min.) permits qualitative 

identification of elements Be to U 

and FP quantitative analysis to be 

completed in just two and a half 

minutes.

Các  nhóm  có sẵn
Các điều kiện tối ưu có thể được tạo ra dựa trên các điều 

kiện đã được chuẩn bị cho các dạng mẫu: rắn, lỏng, bột, 

kim loại và oxit.

Thông tin hỗ trợ để thiết lập điều kiện có trên mỗi 

nhóm có sẵn để đảm bảo hoạt động không có lỗi.

Bốn  chức  năng  so khớp kết quả

Các nhóm điều kiện có sẵn và chức năng so khớp giúp đơn giản hóa việc thiết lập các điều kiện và 
quá trình phân tích.

Simple analysis procedure
Click with the mouse to designate the turret position.

Qualitative identification of all elements and quantitative analysis by the FP method.

Conditions can be selected to suit the compound form, sample form, and analysis time. 

Qualitative analysis of heavy elements (Ti to U)

Qualitative analysis of light elements (Be to Sc)

Result display of FP method and quantitative analysis 

1.

2.

3.

2.5(min)

20(sec)

1

2

3

Qualitative/quantitative analysis exampleAnalysis time chart

Qualitative analysis results for glass

Analyte Result Proc-Calc

Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP
Quant-FP

72.8510%
12.0833%

7.1260%
5.0228%
1.6959%
0.5542%
0.4541%
0.1128%
0.0459%
0.0430%
0.0110%

SiO2
Na2O
CaO
MgO
AI2O3
K2O
P2O5
Fe2O3
TiO2
MnO
ZrO2

Si Ka
Na Ka
Ca Ka
MgKa
Al Ka
K Ka
P Ka

Fe Ka
Ti Ka

MnKa
Zr Ka

1728.946
50.450

448.911
32.835
47.785
44.969
14.287
14.156
0.928
3.488
9.972

7.307
0.389
1.854
0.859
3.544
1.003
1.178
1.351
0.169
0.851

15.385

Line Net BG

Quantitative Results

 (*)  Optional analyzing crystals required to analyze elements Be to N.

1.

2.

3.

4.

Xác định mẫu khác nhau

Phân loại mẫu

Xác định mẫu

Tìm kiếm kết quả khớp nhất

Mẫu không xác định được so sánh với giá trị tham chiếu để đánh 

giá nếu chúng cùng loại.

Các giá trị tham chiếu và dung sai cho nhiều mẫu được lưu và sử 

dụng để xác định mẫu chưa biết.

Thành phần của nhiều mẫu được lứu trữ để xác định mẫu chưa biết.

Các giá trị tham chiếu cho nhiều mẫu được lưu trữ và mẫu có giá trị 

tham chiếu có chênh lệch nhỏ nhất so với mẫu chưa biết được tìm 

thấy.

Ví dụ về tính năng so khớp



Phần mềm đầy đủ tính năng, dễ sử dụng
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Sequential X-ray Fluorescence Spectrometer

Total display

Setting the Conditions
Phần mềm đầy đủ tính năng, dễ sử dụng phát triển dựa trên kết quả thu được từ mô hình tán xạ 
năng lượng và tán xạ bước sóng.

Toàn bộ  hoạt  động

Xử lý dữ liệu bắt đầu ngay sau khi phân tích mẫu.

Hiển thị tất cả các kênh phân tích.

Kết quả phân tích được hiển thị đầy đủ.

Các mẫu và các nguyên tố có thể được kiểm tra nhanh chóng.

Ch ia  sẻ dữ  l iệu  qua  mạng  LAN  và  e -mail
Chia sẻ qua mạng cục bộ LAN

Chức năng thông báo bằng email cho phép thông báo khi 

hoàn thành phân tích, gửi kết quả, thông báo lỗi tới địa chỉ 

email được chỉ đinh.

On-line fitt ing

Integrated intensity or fitting intensity can be used as the 
quantitative intensity. This is effective when the peak half-width 
value differs according to the sample.
Data processing displays the profile of elements for which the 
integrated intensity has been measured, allowing parameter 
review and re-analysis.

Film

Multi-layer thin films can be set (up to 10 layers, up to 100 
components).
Film composition is clearly displayed.
Thickness calculation simulation investigates whether the sample 
can be calculated as a film sample.  
The BG-FP method can be used for film analysis to achieve 
quantitative analysis using standard samples with a different 
form from the target unknown sample. 

The operation tree, element list, and 
operation screens are displayed 
simultaneously for easy, immediate 
viewing of the required information.

[Hoạ t  động  đơn  giản ]



Full-featured, Easy-to-use Software
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Máy quang phổ huỳnh quang t ia X-tán xạ bước sóng

Tổng  quan

Đặ t  đ iều  k iện
The Full-featured, easy-to-use software is based on expertise gained developing wavelength 
dispersive and energy dispersive models.

Total operation

Data processing commences immediately after sample analysis.
All analysis channels for which analysis is complete can be 
displayed in addition to the currently displayed analysis channel.

Analysis results are displayed, and Analysis results can be 
reviewed for confirmation.
The currently analyzed sample and elements can be checked at a 
glance.

Network and automatic E-mail  functions
Data sharing over a LAN (Local Area Network). 
E-mail notification functions allow analysis completion 
notification, analysis result transmission, and error notification 
to a designated E-mail address.

On-line fitt ing

Cường độ tích hợp và cường độ đúng có thể được sử dụng 

làm cường độ định lượng. Điều này có hiệu quả khi giá trị 

nửa chiều rộng cực đại khác nhau tùy theo mẫu.

Xử lý dữ liệu hiển thị hồ sơ của các nguyên tố mà cường 

độ tích hợp được đo, cho phép xem lại tham số và phân 

tích lại.

Film

Cài đặt nhiều lớp với film mỏng (tối đa 10 lớp, 100 thành 

phần).

Cấu tạo tấm film được thể hiện rõ ràng.

Mô phỏng tính toán độ dày, kiểm tra xem mẫu có thể được 

tính như một mẫu film hay không?

Phương pháp BG-FP được sử dụng để phân tích định 

lượng tấm film bằng cách sử dụng mẫu chuẩn  

Hiển thị đầy đủ các nguyên tố, chi 

tiết cài đặt, dễ dàng kiểm tra các 

thông tin cần thiết.

[Straightforward operations]



Easy Maintenance
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Thuận  t iện  và  dễ  sử  dụng The reliable LAB CENTER maintenance functions ensure the system is always in peak condition. 
The instrument status is monitored on the workstation screen to allow adjustment of all parts. 

Đăng  ký  mẫu  thuận  t iện
Nhập tên mẫu là không cần thiết sau khi tên mẫu và điều kiện 

phân tích đã được nhập một lần (Phân tích thường quy).

Nhập tên mẫu bằng số serial.

Khởi động và dừng hệ thống, tự động hiệu chuẩn PHA có thể 

được đăng ký theo lịch để vận hành tự động.

Tạo  báo  cáo
Dữ liệu định tính/định lượng và dữ liệu định lượng có thể tìm 

kiếm và hiển thị kết quả dưới dạng bảng.

Kết quả tính toán có thể được xuất ra ở định dạng CSV để 

chỉnh sửa bằng Excel (*) hoặc một số phần mềm bảng tính 

khác. 

H iển  thị  pro f i le
Hiển thị  theo  cột đôi hoặc ba, theo layout để in thuận tiện.

Hình ảnh profile có thể được dùng cho ứng dụng khác.

The control system continuously monitors the instrument status, 
such that it can be instantly checked on the display. If a fault 
occurs in the instrument, the location, cause, and remedy are 
immediately displayed on the warning and error screen. 
The operation status is recorded automatically to facilitate rapid 
countermeasures.

Kết hợp kết quả phân tích và WordPad

Continuous monitoring system

To maximize X-ray tube life, the flow rate, electrical conductivity, 
inlet and outlet water temperatures, and water levels (warning 
level, X-ray shutoff level) are continuously monitored to notify of 
alarms immediately. 

X-ray tube cooling water monitoring

Automatic shutoff after analysis and timer-controlled automatic 
system start-up offer reliable unmanned operation of the system.

Automatic operation

Self-diagnosis is conducted for eight mechanical systems: filter, 
spin, aperture, collimator, attenuator, crystal changer, 
goniometer, and sample loading / sample discharge.

Self diagnosis

Automatic PHA adjustment for SC and FPC can be conducted 
using dedicated samples. This adjustment maintains the 
instrument in peak condition for analysis.

Automatic PHA adjustment
The error status, instrument options, and software version 
information can be transmitted when a fault occurs in the 
instrument. Accurate diagnosis reduces instrument downtime.

Diagnosis via e-mail

Continuous monitoring system

Automatic operation system

Kết quả hiển thị trên Excel

Phân tích định kỳ
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Máy quang phổ huỳnh quang t ia X-tán xạ bước sóng

Convenient and Easy to Use Các chức năng bảo trì đáng tin cậy của XRF-1800 đảm bảo hệ thống luôn trong tình trạng tốt nhất. Trạng 
thái thiết bị được theo dõi trên màn hình máy tính, cho phép điều chỉnh tất cả các bộ phận. 

Convenient sample registration
Sample name entry is unnecessary after the sample name and 
analysis conditions have been entered once. (Routine analysis)
Simple sample name entry using serial numbers.
System starting and stopping and automatic PHA calibration can 
be registered in a schedule for automatic operation. 

Report generation
Qualitative/quantitative data and quantitative data can be 
searched and analysis results displayed in tabular form.
Tabulated results can be output in CSV format for editing with 
Excel (*) or some other spreadsheet software. 

Profi le display
Double or triple column layout printing and landscape or 
portrait format are possible, according to the screen display.
A profile image can be copied for display by other applications. 

Hệ thống điều khiển liên tục theo dõi trạng thái thiết bị, giúp 

kiểm tra ngay lập tức từ màn hình. Nếu xảy ra lỗi trong thiết 

bị, vị trí, nguyên nhân và cách khắc phục sẽ được hiển thị 

ngay trên màn hình cảnh báo lỗi. 

Trạng thái hoạt động được ghi lại tự động để tạo điều kiện 

đưa ra các biện pháp đối phó nhanh chóng.

Sample combination of data processing and WordPad

Hệ  thống  giám  sát  l iên  tục

Để tối ưu tuổi thọ của ống phóng tia X, tốc độ dòng chảy, độ 

dẫn điện, nhiệt độ đầu vào/đầu ra của nước và mực nước 

(mức cảnh báo, mức tắt tia X) liên tục được giám sát để đưa 

ra cảnh báo ngay lập tức.

G iám  sát  nước  làm  mát  ống  phóng  t ia  X

Tự động ngắt sau khi phân tích và bộ timer tự động khởi động 

lại hệ thống mà không cần người vận hành.

Hoạ t  động  tự  động

Tự chẩn đoán được thực hiện cho tám hệ thống cơ học: bộ 

lọc, spin, khẩu độ, collimator, bộ suy hao, bộ thay đổi tinh 

thể, giác kế và bộ nạp/xả mẫu.

Tự  chẩn  đoán

Quá trình điều chỉnh PHA cho SC và FPC có thể được tiến 

hành tự động bằng các sử dụng mẫu chuyên dụng. Sự 

điều chỉnh này giúp duy trì trạng thái tốt nhất cho thiết bị.

Tự  động  đ iều  chỉnh  PHA
Trạng thái lỗi, các tùy chọn, phiên bản phần mềm có thể 

được truyền đi khi xảy ra lỗi trong thiết bị. Chẩn đoán chính 

xác làm giảm thời gian chết của thiết bị.

Chẩn  đoán  qua  e -mail

Hệ thống giám sát liên tục

Hệ thống hoạt động tự động

Sample combination of tabulation and spreadsheet software

Routine analysis
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Sequential X-ray Fluorescence Spectrometer

Combinations of X-ray Tube, Analyzing Crystal ,  and Detector

Detection Limits

Periodic Table

X-ray Tube
Phương pháp 

điều khiển

Công suất tối đa
Độ ổn định đầu ra
Các mạch bảo vệ

4 kW, loại cửa sổ mỏng, bia Rh, cửa sổ ở cuối 
Điều khiển hoàn toàn bằng máy 
Tự động aging
Lập trình  để tự khởi động/tắt.
60 kV, 140 mA, 150 mA (tùy chọn)
±0.005% cho dao động đầu vào từ +15% tới -10%
Quá dòng, quá áp, quá tải, điện áp vào, nước làm mát, khóa 
liên động bất thường. Tùy chọn: bộ nguồn cao áp cao tần 
(Note 1)

*1 Công suất tối đa: 60 kV, 150 mA, 4 kW
Độ ổn định đầu ra: ±0.005% cho +21% tới-10% dao động
đầu vào. Các thông số khác là tiêu chuẩn.

*Windows và Windows 7 là các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation (Hoa Kỳ) tại 
Hoa Kỳ và các nước khác. 
*Ngoài ra, tên công ty và tên sản phẩm được ghi chú là nhãn hiệu hoặc đã đăng ký thương 
hiệu của các công ty tương ứng.
*Các ký hiệu™ và ® không được sử dụng trong tài liệu này.
Diện mạo và thông số kỹ thuật của tất cả các sản phẩm trong danh mục này có thể được 
thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bộ  phát  t ia  X

Bộ  làm  mát  ống  phóng  t ia  X
Phương pháp 
trao đổi nhiệt
Nước làm mát

Nước làm mát tuần hoàn bằng ống kép

Tinh khiết với bộ trao đổi ion tích hợp

Bộ  đếm /đ iều  kh iển
Bộ phân tích độ 

cao xung
Bộ cấp điện áp cao 

cho detector
Đếm tuyến tính
Scaler, timer
Điề khiẻn

θ-2θ, vận hành PHA, hiệu chỉnh trôi đỉnh, tự 
động điều chỉnh PHA, hiệu chỉnh dead-time
500 tới 1,000 V cho SC
1,500 - 2,500 V cho FPC
1,000 kcps cho SC; 2,000 kcps cho PC
Khả năng đếm tối đa 232-1, 0.1 tới 3000 giây.
Điều khiển đa nhiệm bằng máy tính 32-bit 

Quang  phổ  kế
Khoang mẫu

Bộ nạp mẫu
Bộ đổi mẫu
Cốc giữ mẫu

Bộ lọc tia X sơ cấp
Khẩu độ

Khe sáng

Bộ suy hao
Bộ đổi tinh thể 

phân tích
Tinh thể phân tích

Bộ thu tín hiệu

Hệ thống khí FPC 

Bộ giác kế

Nhiệt độ 
yêu cầu
Hệ thống 
chân 
không

Chiếu xạ tia X từ phía trên mẫu
Xoay mẫu ở tốc độ 60 vòng/phút (50/60 Hz)
Hướng quay: một trong hai hướng (đơn vị 1 độ)
Cánh tay đòn với cơ chế nâng mẫu
Mâm xoay 8 vị trí
7 cho mẫu rắn,1 cho phân tích cục bộ
Kích thước mẫu tối đa 51 mm ø. × 38 mm cao
Tự động thay đổi giữa 5 bộ lọc (AI, Ti, Ni, Zr, OUT)
Tự động thay đổi giữa 5 khẩu độ
(500 mm, 3, 10, 20, 30 mm ø)
Tự động thay đổi giữa 3 khe sáng 
(Tiêu chuẩn, độ phân giải cao, độ nhạy cao)
Tự động ON-OFF (suy hao: khoảng 1/10)     
Tự động thay đổi giữa 10 tinh thể, xoay hai chiều

LiF (200), PET, Ge TAP bốn loại tiêu chuẩn
LiF (220), SX-52, SX-1, SX-14, SX-88, SX-98, SX-76, 
SX-410 tùy chọn
Bộ đếm nhấp nháy (SC) cho kim loại nặng
Bộ đếm tỷ lệ (FPC) cho kim loại nhẹ
Cửa sổ mỏng 0.6 µm bằng film nhôm lắng 
động, dây tóc loại Cartridge 
Bộ điều khiển điện tử ổn định mật độ khí 
Mức tiêu thụ khí: 5 mL/min.
θ, 2θ hệ thống truyền động độc lập

        Góc quét: SC: 0° to 118° (2 )
                                  PC: 7° to 148° (2 )
2θ Tốc độ quét

Tối đa: 1200°/phút.  
    Tốc độ quét liên tục: 0.1° tới 300°/phút.
    Bước quét: 0.002° tới 1.0°
    Độ lặp lại vị trí dừng: ±0.0003° tối đa.
35°C±0.3°C

Ổn định chân không
Bơm quay (với bộ lọc hơi dầu) Tùy chọn tạo chân 
không ở tốc độ cao hoặc thấp.

Làm sạch không khí ở tốc độ cao/thấp.

Buồng quang phổ: chân không hoặc không khí 
(tùy chọn Heli)

Computer
Hệ điều hành OS
Bộ nhớ
Ỏ cứng
Màn hình
Card mạng
Máy in

IBM-PC/AT, hoặc tương đương
Windows 7
128 MB
Tối thiểu 20 GB.
17 inch (1024 × 768 pixels)
Ethernet
In màu
In laser (tùy chọn)

Cấu  h ình  máy  t ính

Giám sát thiết bị

Tự động ghi lại 
trạng thái hoạt động
Tự động Tắt/Khởi 
động
Điều chỉnh PHA tự 
động

Tự chẩn đoán

Đầu ra ống phóng tia X, tinh thể phân tích, áp suất ngăn 
mẫu  góc 2θ ,  nước làm mát ống phóng tia X 
(độ dẫn, nhiệt độ nước vào/ra)

Nguồn ống phóng tia X, nước làm mát ống phóng 
tia X, khí PR , kiểm soát nhiệt độ

Bảo  dưỡng

Dây tóc FPC
FPC Window
Dụng cụ lấy mẫu

Dụng cụ 
điều chỉnh

1
2 bộ
1 bộ 

1 bộ

Phụ  k iện  t iêu  chuẩn
Ion exchange resin (1 L)
Dầu bơm chân không 

Mỡ cách điện cao áp

Mỡ chân không
Phụ tùng

1
1 (4L)
1

1
1 bộ

Phân tích cục bộ

Điều kiện mẫu
Phân tích đơn giản
Phân tích định kỳ
Trợ giúp online
Phân tích định lượng

Phân tích định tính

Phân tích định tính /
định lượng
Báo cáo

Chức năng thư 
tự động

Chỉ định vị trí (định tính, định lượng)
Phân bố nguyên tố (cường độ, phân bố định lượng)
Điều kiện cho từng dạng mẫu, dạng hợp chất
Cao, tiêu chuẩn, tốc độ thấp, kim loại và oxit

Phương pháp nền FP
   Lên tới 100 nguyên tố với các mẫu lớn
   Lên tới 10 lớp và 100 nguyên tố cho mẫu dạng film
 Phương pháp đường cong chuẩn (tuyến tính và bậc hai); tự 
động lựa chọn
Tính toán lại ngoại tuyến
Hiệu chỉnh ma trận bằng 4 loại hồi quy đa tuyến
Tính toán hệ số hiệu chỉnh ma trận bằng phương pháp SFP
Đo cường độ đỉnh và cường độ tích hợp
Mô phỏng tính toán độ dày

Chức năng cấu hình tia X bậc cao
Điều khiển độ nhạy tự động (ASC)
Làm mịn, hiệu chỉnh nền, chọn đỉnh , xác định định tính tự 
động, tự động tách đỉnh, tính toán nền tại tối đa 16 điểm 
(tuyến tính, bậc hai, hàm khối, hàm Lorentz, hàm spline, hàm 
hyperbol), sửa đỉnh (thêm/xóa đỉnh, đánh dấu phor nguyên tố, 
liệt kê các nguyên tố có thể với đỉnh chưa rõ), xử lý lớp phủ 
lên tới 8 mẫu, thay đổi tỉ lệ

 góc 2θ, bước sóng, năng lượng, tuyến tính và logarit

Mẫu lớn hoặc màng mỏng

Báo cáo hàng ngày, hàng tháng, thống kê, đầu ra dạng 
ASCII, biểu đồ kiểm soát đầu ra
Thông báo hoàn thành phân tích, thông báo lỗi, gửi kết 
quả phân tích

Phần  mềm

The table shows conditions suitable for the analysis of various elements.

Zr

Ni

Ti

Al

LiF (200) SC,FPC

Ge

PET

TAP

(SX-1)

(SX-52)

(LiF(220))

(SX-14)

(SX-76)

(SX-98)

(SX-88)

(SX-410)

FPC

SC

114Wavelength(Å)

K series

L seriesSpectra

X-ray tube

Analyzing
crystal

Detector

Primary
X-ray filter

M series

Rh(Rh/Cr)

(Cr)

(Mo)

(W)

4
Be

5
B

6
C

7
N

8
O

9
F

10
Ne

11
Na

12
Mg

13
Al

14
Si

15
P

16
S

17
Cl

18
Ar

19
K

20
Ca

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

· · · 33
As

34
Se

· · · 40
Zr

41
Nb

42
Mo

43
Tc

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

· · · 55
Cs

56
Ba

58
Ce

· · ·

· · · 30
Zn

· · · · · · 42
Mo

45
Rh

48
Cd

50
Sn

55
Cs

56
Ba

57
La

58
Ce

60
Nd

· · · · · · 68
Er

72
Hf

74
W

79
Au

80
Hg

82
Pb

· · · 92
U

· · ·

· · · 56
Ba

57
La

58
Ce

· · · · · · 74
W

80
Hg

82
Pb

· · · · · · 92
U

45 20 10 5 3 2 1.5 1 0.7 0.5 0.4

0.5Excitation voltage(kV) 1.0 2.5 3 7 9 12 20 30 40

Note: ( ): Option
Suitable       Possible 

200 ppm or higher 500 ppm or higher 10 ppm or higher 1 ppm or higher 0.1 ppm or higher 0.05 ppm or higher
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Sự  kết  hợp  của ống  phóng  t ia  X ,  t inh  thể  phân  t ích,  và  bộ  thu  t ín  h iệu

G iớ i  hạn  phát  h iện

Bảng tuần hoàn

X-ray Tube
Control Method

Max. Rating
Output Stability
Protective circuits

4 kW, thin-window, Rh target, end-window construction 
Fully computer controlled
Automatic aging
Programmable for automatic start-up and shutoff
60 kV, 140 mA, 150 mA (option)
±0.005% for +15% to -10% input fluctuation
Overvoltage, overcurrent, overloading, abnormal input voltage, 
abnormal cooling water, abnormal interlocks on operation panels
Optional: high-frequency inverter power supply (Note 1)

*1 Maximum Rating: 60 kV, 150 mA, 4 kW
Output Stability: ±0.005% for +21% to -10% input fluctuation
Other specifications as standard.

*Windows and Windows 7 are registered trademarks of Microsoft Corporation (USA) in the 
  United States and other countries.
*Additionally noted company names and product names are the trademarks or registered  
  trademarks of the respective companies.
*The notations™ and ® are not used in this document.
The appearance and specifications of all products in this catalog may be changed without notice. 

X-ray Generator

X-ray Tube Cooling Unit
Method of Heat 
Exchange
Cooling Water

Dual-tube cooling water circulation

Purified with built-in ion exchange resin

Counting/Control Unit
Pulse Height 
Analyzer
Detector High 
Voltage Supply
Counting Linearity
Scaler, timer
Control Method

θ-2θ, PHA operation, peak shift correction, 
automatic PHA adjustment, dead-time correction
500 to 1,000 V for SC
1,500 - 2,500 V for FPC
1,000 kcps for SC; 2,000 kcps for PC
Max. counting capacity 232-1, 0.1 to 3000 sec.
Multitasking control by 32-bit computer

Spectrometer
Sample 
Compartment

Sample Loading Unit
Sample Changer
Sample Holder

Primary X-ray Filter
Aperture

Primary Slit

Attenuator
Analyzing Crystal 
Changer
Analyzing Crystals 

Detector

FPC Gas System

Goniometer

Temperature 
Control
Evacuation 
System

X-ray irradiation from above the sample
Sample rotation at 60 rpm (50/60 Hz)
Direction of rotation: set either direction (1-degree units)
Swing arm with sample lifting mechanism
8-sample turret
7 for solid samples,1 for local analysis
Max. sample size: 51 mm ø. × 38 mm high
Automatic changing of five filters (AI, Ti, Ni, Zr, OUT)
Automatic changing of five apertures 
(500 mm, 3, 10, 20, 30 mm ø.)
Automatic changing of three types 
(Standard, high-resolution, high-sensitivity)
Automatic ON-OFF control (attenuation: approx. 1/10)     
Automatic changing of 10 crystals; bi-directional rotation type

LiF (200), PET, Ge TAP as four standard types
LiF (220), SX-52, SX-1, SX-14, SX-88, SX-98, SX-76, SX-410 
optional
Scintillation counter (SC) for heavy elements
Proportional counter (FPC) for light elements
Aluminum deposited 0.6 µm thick film window
Cartridge type filament
Electronically controlled gas density stabilizer 
Gas consumption: 5 mL/min.
θ, 2θ independent drive system
Scanning angle range: SC: 0° to 118° (2θ)
                                   PC: 7° to 148° (2θ)
2θ scanning speed
    Maximum speed: 1200°/min.  
    Continuous scanning speed: 0.1° to 300°/min.
    Step scanning: 0.002° to 1.0°
    Stopping position repeatability: ±0.0003°max.
35°C±0.3°C

Vacuum stabilizer
Coupled rotary pump (with oil mist filter)
Pre-evacuation selectable at high or low speed
Air purging selectable at high or low speed
Spectrometer atmosphere: vacuum or air
                                          He optional

Computer
Operating system (OS)
Main Memory
Hard disc
Display
Network function
Printer

IBM-PC/AT, or compatible
Windows 7
128 MB
20 GB, or more.
17 inch (1024 × 768 pixels)
Ethernet
Color printer
Laser printer (optional)

Workstation Hardware

Instrument Status 
Monitoring

Automatic Recording 
of Operation Status
Automatic Start and 
Shutoff
Automatic PHA 
(pulse height analyzer) 
adjustment
Self Diagnosis

X-ray tube output, analyzing crystal, sample compartment 
pressure, 2θ angle, X-ray tube cooling water (electrical 
conductivity, inlet/outlet water temperatures)

X-ray tube power, X-ray tube cooling water, PR gas, 
temperature control

Maintenance

FPC filament Unit
FPC Window
Samples for 
instrument 
adjustment
Tools

1
2 as a set
1 set 

1 set

Standard Accessories
Ion exchange resin (1 L)
Vacuum pump oil (4 L) 

High-voltage insulation 
grease

Vacuum grease
Spare parts

1
1
1

1
1 set

Local Analysis

Template Conditions
Simple Analysis
Routine Analysis
On-line Help
Quantitative Analysis

Qualitative Analysis

Qualitative/
Quantitative Analysis
Tabulation

Automatic Mail 
Functions

Position designation (quantitative, qualitative)
Mapping (intensity distribution, quantitative distribution)
Conditions provided for sample form and compound form
High-, standard-, and low-speed analysis, metals and oxides

Fundamental parameter (FP) method 
Background FP method
   Up to 100 components for bulk samples
   Up to 10 layers and 100 components for film samples
 Calibration curve method (linear and quadratic); automatic 
selection of 5 divisions 
Off-line re-calculation
Matrix correction by 4 types of multilinear regression
Matrix correction coefficient calculation by the SFP method
Measurement of peak intensity and integrated intensity
Thickness calculation simulation
Higher-order X-ray profile functions
Automatic sensitivity control (ASC)
Smoothing, background correction, peak pick, automatic 
qualitative determination, peak separation by function fitting, 
background fitting at up to 16 points (linear, quadratic, cubic 
functions, Lorentz function, spline function, hyperbolic 
function), peak editing (addition/deletion of peaks, element 
spectra marking, listing of probable elements for unknown 
peaks), overlaid processing of up to 8 samples, scale change 
(2θ angle, wavelength, energy, linear and logarithmic X-ray 
intensity)
Bulk and thin-film samples

Daily report, monthly report, statistical processing, output as 
ASCII file, control chart output
Analysis completion notification, error notification, analysis 
result transmission

Software

Bảng này cho thấy các điều kiện phù hợp để phân tích các nguyên tố khác nhau.

Zr

Ni

Ti

Al

LiF (200) SC,FPC

Ge

PET

TAP

(SX-1)

(SX-52)

(LiF(220))

(SX-14)

(SX-76)

(SX-98)

(SX-88)

(SX-410)

FPC

SC

114Bước sóng (Å)

Lớp K

Lớp LPhổ

Ống phóng tia X

Tinh thể phân tích

Bộ thu tín hiệu

Bộ lọc sơ cấp

Lớp M

Rh(Rh/Cr)

(Cr)

(Mo)

(W)

4
Be

5
B

6
C

7
N

8
O

9
F

10
Ne

11
Na

12
Mg

13
Al

14
Si

15
P

16
S

17
Cl

18
Ar

19
K

20
Ca

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

· · · 33
As

34
Se

· · · 40
Zr

41
Nb

42
Mo

43
Tc

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

· · · 55
Cs

56
Ba

58
Ce

· · ·

· · · 30
Zn

· · · · · · 42
Mo

45
Rh

48
Cd

50
Sn

55
Cs

56
Ba

57
La

58
Ce

60
Nd

· · · · · · 68
Er

72
Hf

74
W

79
Au

80
Hg

82
Pb

· · · 92
U

· · ·

· · · 56
Ba

57
La

58
Ce

· · · · · · 74
W

80
Hg

82
Pb

· · · · · · 92
U

45 20 10 5 3 2 1.5 1 0.7 0.5 0.4

0.5Điện áp kích thích (kV) 1.0 2.5 3 7 9 12 20 30 40

Ghi chú ( ): Tùy chọn
Thích hợp     Có thể 

200 ppm hoặc cao hơn 500 ppm hoặc cao hơn 10 ppm hoặc cao hơn 1 ppm hoặc cao hơn 0.1 ppm hoặc cao hơn 0.05 ppm hoặc cao hơn
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  Thép  (ppm )

  Lớp  mạ  (µg/cm2)

Application: Primary Fi lter,  High-Resolution Sl it ,  and High-Resolution 
LiF220 Monochromator Crystal

Inserting the primary filter reduces the interference lines (X-ray tube Rh scattered radiation) and background, improves the S/N ratio, and 
detects clear spectra. 

The high-resolution slit and LiF220 can separate multi-spectra. 

Hàm lượng phát hiện tối  thiểu  (LLD)

  Chất  xúc  tác  (ppm )

  Chất  lỏng  (ppm )

  T iêu chuẩn  RoHS  (ppm )

Nguyên tố                 LLD Tinh thể đơn sắc Mẫu Tiền xử lý Thời gian tích  hợp

Nguyên tố LLD Tinh thể đơn sắc Mẫu Tiền xử lý Thời gian tích hợp

Nguyên tố LLD Tinh thể đơn sắc Mẫu Tiền xử lý Thời gian tích hợp

Nguyên tố LLD Tinh thể đơn sắc Mẫu Tiền xử lý Thời gian tích hợp

Nguyên tố LLD Tinh thể đơn sắc Mẫu Tiền xử lý Thời gian tích hợp

SX-88

SX-98

SX-52

Thép không gỉ

Thép hợp kim thấp

Xỉ

Mirror finish

Zirconia No. 80*

Nén thành bánh

100 s

40 s

40 s

* Máy đánh bóng đai

45Rh

46Pd

78Pt

6

5

2.6

LiF Cordierite Nén thành bánh 60 s

12Mg

24Cr

33As

82Pb

3

0.5

0.06

0.005

TAP

LiF

LiF

LiF

Dầu

Dung dịch chuẩn

Kem dưỡng da mặt

Dung dịch chuẩn

Nhỏ trên giấy lọc

Nhỏ trên giấy lọc

Hòa tan

Thu trên giấy lọc 
trao đổi ion

200 s

100 s

200 s

40 s

25Mn

28Ni

82Pb

0.011

0.008

0.05

LiF Bụi khí quyển Thu từ bộ lọc 40 s

17Cl

24Cr

35Br

48Cd

80Hg

82Pb

1.5

4.9

11

0.6

11

14

23

4.2

14

4.9

Ge

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

Tấm nhựa

Thép

Hợp kim đồng

Tấm nhựa

Hợp kim đồng

Thiếc hàn

Kẽm

Thép

Hợp kim đồng

Thiếc hàn

Không

Máy tiện

Máy tiện

Không

Máy tiện

Máy tiện

Máy tiện

Máy tiện

Máy tiện

Máy tiện

20 s

100 s

40 s

20 s

40 s

120 s

40 s

40 s

40 s

40 s

5B

6C

9F

64

80

45

Software peak separation calculations can be used to determine the individual intensities.
PbLα1, AsKα1, AsKα2, PbLα2 are separated.

No Zr fi lter Zr fi lter inserted

Standard Slit
LiF200 Monochromator Crystal (Standard)

High-Resolution Slit
LiF200 Monochromator Crystal (Standard)

High-Resolution Slit
LiF220 Monochromator Crystal (Optional)

Ni fi lter insertedNo Ni fi lter
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Máy quang phổ huỳnh quang t ia X-tán xạ bước sóng

  Steel (ppm)

  Coatings (µg/cm2)

Ứng  dụng :  Bộ  lọc  sơ  cấp,  Khe  sáng  độ  phân  giả i  cao ,  T inh  thể  đơn
sắc  độ  phân  giả i  cao  L iF220 

Sử dụng bộ lọc sơ cấp làm giảm các đường giao thoa (bức xạ phân tán Rh của ống phóng tia X) và nền, cải thiện tỷ lệ S/N (tín 

hiệu/nhiễu) và phát hiện phổ rõ ràng.

Khe sáng độ phân giải cao và tinh thể LiF220 có thể tách nhiều phổ. 

Lower Limits of Detection

  Catalyst (ppm)

  Liquids (ppm)

  RoHS, Heavy Metal Regulations (ppm)

Element Lower Limit of Detection Monochromator Crystal Sample Pretreatment Integration Time

Element Lower Limit of Detection Monochromator Crystal Sample Pretreatment Integration Time

Element Lower Limit of Detection Monochromator Crystal Sample Pretreatment Integration Time

Element Lower Limit of Detection Monochromator Crystal Sample Pretreatment Integration Time

Element Lower Limit of Detection Monochromator Crystal Sample Pretreatment Integration Time

SX-88

SX-98

SX-52

Stainless steel

Low-alloy steel

Slag

Mirror finish

Zirconia No. 80*

Briquette press

100 s

40 s

40 s

* Belt polishing machine

45Rh

46Pd

78Pt

6

5

2.6

LiF Cordierite Briquette press 60 s

12Mg

24Cr

33As

82Pb

3

0.5

0.06

0.005

TAP

LiF

LiF

LiF

Oil

Standard solution

Face lotion

Standard solution

Drip on filter paper

Drip on filter paper

Solution method

Collection on ion 
exchange filter paper

200 s

100 s

200 s

40 s

25Mn

28Ni

82Pb

0.011

0.008

0.05

LiF Atmospheric dust Filter collection 40 s

17Cl

24Cr

35Br

48Cd

80Hg

82Pb

1.5

4.9

11

0.6

11

14

23

4.2

14

4.9

Ge

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

LiF

Plastic sheet

Steel

Copper alloy

Plastic sheet

Copper alloy

Solder

Zinc

Steel

Copper alloy

Solder

None

Lathe cutting

Lathe cutting

None

Lathe cutting

Lathe cutting

Lathe cutting

Lathe cutting

Lathe cutting

Lathe cutting

20 s

100 s

40 s

20 s

40 s

120 s

40 s

40 s

40 s

40 s

5B

6C

9F

64

80

45

Phần mềm tính toán phân tách đỉnh có thể được sử dụng để xác định các cường độ riêng lẻ.

PbL 1, AsKα1, AsKα2, PbLα2 được phân tách.

Không có bộ lọc Zr Có bộ lọc Zr

Khe sáng tiêu chuẩn
Tinh thể đơn sắc LiF200  (Tiêu chuẩn)

Khe sáng độ phân giải cao
Tinh thể đơn sắc LiF200  (Tiêu chuẩn)

Khe sáng độ phân giải cao
Tinh thể đơn sắc LiF220  (Tùy chọn)

Có bộ lọc NiKhông bộ lọc Ni
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Giá trị trong các khung ở góc dưới bên phải cho thấy độ chính xác.

Điều chỉnh cho các nguyên tố gần nhau giúp định lượng chính xác hơn.

   Pb (Lα)     As (Kα)     Điều chỉnh chồng phổ

   As (Kβ)    Bi (Ln)       Điều chỉnh chồng phổ

Qualitative / Quantitative Analysis of the SolderỨng  dụng :  Đường  cong  chuẩn  cho  th iếc  hàn

P : 110 ppm                  Al : 50 ppm

Quantitative Analysis Results by the FP method Trace spectrum of AI and P

Cd Pb Cu

Ag Sb Bi

Zn Ni Fe

As Se Al

0.0018%
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Giá trị chuẩn

0.0095% 0.014%

0.0080% 0.020% 0.0032%

0.0006% 0.0005% 0.0012%

0.0008% 0.0004% 0.00005%

Analyte Result Proc-Calc

Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP

89.5262%
4.7866%
4.3754%
0.9738%
0.1350%
0.0645%
0.0456%
0.0267%
0.0233%
0.0229%
0.0110%
0.0089%

Sn
Sb
Cu
Ni
Fe
Pb
Ag
As
Zn
Bi
P
Al

SnLa
SbLa

CuKa
NiKa
FeKa
PbLa

AgKa
AsKb
ZnKa
BiLa
P Ka
AlKa

1782.782
97.995

183.047
39.653

3.236
1.847
0.497
0.374
1.134
0.674
0.663
0.189

9.283
11.123
2.068
1.296
0.856
2.773
0.493
3.268
1.901
2.853
0.506
0.117

Line Net Int. BG Int.

Result



22 23
XRF-1800

Máy quang phổ huỳnh quang t ia X-tán xạ bước sóng

Values in frames at bottom-right indicate accuracy

Correction for coexisting elements achieves more accurate quantitation.

   Pb (Lα)     As (Kα)     Overlap correction

   As (Kβ)    Bi (Ln)       Overlap correction

Phân  t ích  định  t ính /định  lượng  th iếc  hànApplication: Calibration Curves for Solder

P : 110 ppm                  Al : 50 ppm

Kết quả phân tích định lượng theo phương pháp FP Phổ vạch của Al và P

Cd Pb Cu

Ag Sb Bi

Zn Ni Fe

As Se Al

0.0018%
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Standard Value

0.0095% 0.014%

0.0080% 0.020% 0.0032%

0.0006% 0.0005% 0.0012%

0.0008% 0.0004% 0.00005%

Nguyên tố Kết quả Proc-Calc

Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP
Quant.-FP

89.5262%
4.7866%
4.3754%
0.9738%
0.1350%
0.0645%
0.0456%
0.0267%
0.0233%
0.0229%
0.0110%
0.0089%

Sn
Sb
Cu
Ni
Fe
Pb
Ag
As
Zn
Bi
P
Al

SnLa
SbLa

CuKa
NiKa
FeKa
PbLa

AgKa
AsKb
ZnKa
BiLa
P Ka
AlKa

1782.782
97.995

183.047
39.653

3.236
1.847
0.497
0.374
1.134
0.674
0.663
0.189

9.283
11.123

2.068
1.296
0.856
2.773
0.493
3.268
1.901
2.853
0.506
0.117

Đường Net Int. BG Int.

Kết quả



Flat press head

Briquets samples using a cup or a ring.
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Chuẩn  bị  mẫu  cho  phân  t ích  quang  phổ  huỳnh  quang  t ia  X

Phụ  k iện  tuù  chọn  để  chuẩn  bị  mẫu

Loại mẫu Mẫu Xử lý Cốc giữ mẫu Mục đích

Rắn Làm mịn bề mặt

(Không cần xử lý)

Mật độ đồng đều và 
làm mịn bề mặt

Loại bỏ sự khác biệt của 
các khoáng vật và ảnh 
hưởng của các nguyên tố 
ma trận do pha loãng

Hóa rắn

Cô đặc và hóa rắn

Sắt, Gang
Thép
Thép hợp kim cao
Hợp kim sắt
Hợp kim đồng
Hợp kim nhôm
Chất vô định hình

Bột

Lỏng

— Cắt — Đánh bóng bằng giấy nhám — Cốc giữ mẫu rắn

— Cắt ————— Tiện ————— Cốc giữ mẫu rắn

Cốc giữ mẫu rắn

— Đúc ly tâm — Đánh bóng/tiện — Cốc giữ mẫu rắn
Bột kim loại
Hóa chất
Polyme cao phân tử
Thực vật
Vật liệu gốm
Quặng
Đất
Deposit
Oxit

Dầu
Nước

Nước

— Xay ———— Đóng bánh —————

Cốc giữ mẫu rắn

Cốc giữ mẫu rắn 
với bộ lọc

Cốc đựng mẫu

— Xay———— Nung chảy ——————

————— Không cần xử lý —————

Thu từ giấy lọc trao đổi ion —  Làm khô 
Cô đặc/lắng đọng — Làm khô 

Nhỏ vào giấy lọc ——  Làm khôDầu, Nước

Sample Holder for Local Analysis  (P/N 212-20890-02)

Exclusively used for local analysis. The masks for the solid sample holder are all applicable.

Mask diameter

Materials  

3, 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30 mm ø.

Al, Ti, Ni, Cu, Zr, Mo, stainless

Solid sample holder masks are available to suit various sample sizes and analysis aims.  

Mask diameter

Mask material

Dimensions

Maximum sample size

30 mm ø

Stainless steel as standard; titanium and aluminum optional.

64 mm ø., 43 mm high

51 mm in diameter and 38 mm in height.

Mask diameter

Mask material

Dimensions

Maximum sample size

30 mm ø

Stainless steel as standard; titanium and aluminum optional.

64 mm ø., 43 mm high

51 mm in diameter and 38 mm in height.

Rotation
start position

Phụ kiện tùy chọn

Vibration mill

Sample container

Máy  nghiền kiểu đĩa rung T-100 

Máy chính và bộ timer

3-pha 200 V ±10 %, 50/60 Hz, 5 A

Đường kính 435 mm × 558 mm cao

120 kg

Tiêu chuẩn

Nguồn điện

Kích thước

Trọng lương

Được  sử dụng để trộn hoặc nghiền các mẫu như xỉ, xi 
măng, quặng, thủy tinh và hợp kim sắt

Briquetting Ring
Materials: Aluminum, Vinyl chloride resin

The vinyl chloride resin rings are used for silicate 
samples, while the aluminum rings are used for 
other types of samples, such as cement.
Dimensions: 35 dia. × 5 mm thick

Solid Sample Holder Masks  (P/N 202-89038-XX)

Sample Holders /  Autosample Feeder

Solid Sample Holder  (P/N 212-20890-01)

Lò nung hạt tự động TR-1000S 

Máy đánh bóng mẫu (có bộ 
thu bụi)

Hiệu quả để giảm thiểu các tác động của nhiệt 
và các hiệu ứng khoáng vật trong quặng, đá, 
đất sét và đất. Cũng hữu ích cho xi măng, gốm 
và sản xuất hạt thủy tinh từ quặng sắt và quặng 
thêu kết.

Một trong các cốc chứa mẫu là bắt buộc 
bổ sung:
• Cốc chứa mẫu bằng volfram cacbua (dùng để 
phân tích với Fe là nguyên tố đích).
• Cốc chứa mẫu bằng thép mạ Cr (dùng để 
phân tích mẫu không có Fe là nguyên tố đich)
• Đặt hàng các cốc đựng riêng.

MP-35H Briquet Press Briquetting Cup (No. 9)
(P/N 200-34844-59) 500pcs./set

Used for briquetting powder samples.

Máy nghiền rung TI-100 

Cốc đựng mẫu

Một trong các cốc chứa mẫu là bắt buộc bổ sung:
• Cốc chứa mẫu bằng volfram cacbua (dùng để phân tích với Fe là 
nguyên tố đích).
• Cốc chứa mẫu bằng thép mạ Cr (dùng để phân tích mẫu không có Fe 
là nguyên tố đich).
Đặt hàng các cốc đựng riêng.

Máy chính và timer

10 mL × 2

1 pha 100 V ±10 %, 50/60 Hz, 2 A

W580 × D620 × H400 mm

70 kg

Tiêu chuẩn

Thể tích bên trong

Nguồn điện

Kích thước

Trọng lượng

Được  sử dụng để trộn hoặc nghiền các mẫu như xỉ, xi 
măng, quặng, thủy tinh và hợp kim sắt

Ghi chú:
• Khác: Có sẵn loại thiết bị gia nhiệt cảm ứng tần số cao hoặc thiết bị chuẩn bị hạt thủy tinh tự động.
• Một số tùy chọn không có P/N được liệt kê. Vui lòng liên hệ với đại diện của Shimadzu để biết thêm thông tin.

Notes:Some options with no P/N are listed as an example. Please contact your Shimadzu representative for more information.

Bô đánh bóng

Chén nung bạch kim

Kẹp

Hạt thủy tinh

Các phụ kiện sau đây là cần thiết cho sản 
xuất hạt thủy tinh
• Chén nung bạch kim có nắp
• Kẹp cho chén nung
• Bộ đánh bóng chén nung
• Phễu

1000 °C, 1100 °C tối đa

Lò điện có máy khuấy tự động

7-15 phút

3-pha 200 V ±10 %, 50/60 Hz, 22.5 A

W1215 × D800 × H1350 mm

Khoảng 460 kg

Nhiệt độ nung chảy

Phương pháp 

Thời gian chuẩn bị

Nguồn điện

Kích thước

Trọng lương

3ø ±200V 50/60Hz,

5.6/5.4 A

W441 × D680 × H883 mm

97 kg 

Nguồn điện

Kích thước

Cân nặng

Operation

Press

Maximum pressure

Pressure setting

Press head

Power requirements

Dimensions

weight

Automatic

Hydraulic

350 kN

Arbitrary with a valve

Plane type

3ø 200V ±10%, 50/60 Hz, 3 A

W500 × D500 × H1,210 mm

240 kg

Place the sample in the cup or 
the ring and press it.

Method

Materials Made of aluminum

(P/N  S202-82397-53  dia35mmø  500 pcs./set)

Made of vinyl chloride resin

(P/N  S212-21654-01  dia35mmø  100 pcs./set)

(P/N  S212-21654-02  dia35mmø  500 pcs./set)

(P/N  S212-21654-05  dia22mmø  100 pcs./set)

(P/N  S212-21654-09  dia14mmø  100 pcs./set)

(P/N  S212-21654-10  dia14mmø  500 pcs./set)

(P/N  S212-21654-11  dia25mmø  100 pcs./set)

(P/N  S212-21654-12  dia25mmø  500 pcs./set)

Cup Sample produced

Materials
Dimensions

Steel
36.7 ø. x 11.3 mm high

Masks of smaller diameters are available for samples smaller than the standard.
(5, 10, 15, 20, 25mm ø)

Mask
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Sample Preparation for X-ray Fluorescent Analysis

Optional Accessories for Sample Preparation

Type of sample Sample Treatment Sample holder Purpose of Treatmant

Solid Surface smoothing

( No treatment )

Density uniforming and
surface smoothing

Elimination of mineralogical
differences and elimination
of the effects of matrix
elements due to dilution.

Solidifying

Concentrating and
solidifying

Iron, cast iron
Steel
High alloy steel
Ferroalloy
Copper alloy
Aluminum alloy
Amorphous substance

Powder

Liquid

— Cut — Polish with emery paper — Solid sample holder

— Cut ————— Lather ————— Solid sample holder

Solid sample holder

— Centrifugal casting — Polish/lathe — Solid sample holder
Metal powder
Chemicals
High polymers
Plants
Ceramic materials
Ores
Soils
Deposits
Oxides

Oil
Water

Water

— Grind ———— Briquet —————

Solid sample holder

Solid sample holder
with filter holder

Liquid sample holder

— Grind ———— Melt ——————

————— No treatment —————

Collect on iron exchange filter paper —  Dry
Settle/concentrate on DDTC —  Dry

Drop on filter paper ——  DryOil, Water

Cốc giữ mẫu cho phân tích cục bộ (P/N 212-20890-02)

Sử dụng riêng cho phân tích cục bộ. Các mặt nạ cho cốc giữ mẫu đều được sử dụng.

Đường kính mặt nạ

Vật liệu

3, 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30 mm ø.

Al, Ti, Ni, Cu, Zr, Mo, không gỉ

Mặt nạ giữ mẫu rắn có sẵn để phù hợp với các kích cỡ mẫu khác nhau và mục đích phân tích.  

Đường kính mặt nạ

Vật liệu

Kích thước

Kích cỡ mẫu tối đa

30 mm ø

Thép không gỉ theo tiêu chuẩn, titan và nhôm tùy chọn.

64 mm ø., 43 mm cao

51 mm đường kính x 38 mm cao

Đường kính mặt nạ

Vật liệu

Kích thước

Kích cỡ mấu tối đa

30 mm ø

Thép không gỉ theo tiêu chuẩn, titan và nhôm tùy chọn.

64 mm ø., 43 mm cao

51 mm đường kính x 38 mm cao

Vị trí bắt đầu 
xoay

Optional Accessories

Vibration mill

Sample container

T-100 Disk Type Vibration Mill

Mill main unit and timer

3-phase 200 V ±10 %, 50/60 Hz, 5 A

435 mm dia. × 558 mm high

120 kg

Standard content

Power requirements

Dimensions

Weight

Used to mix or grind samples such as slag, cement, 
ore, glass, and ferroalloy.

Vòng đệm
Vật liệu: Nhôm, nhựa VC

Các vòng nhựa VC được sử dụng cho mẫu 

silicat, trong khi các vòng nhôm được sử 

dụng cho các mẫu khác, như xi măng.
Kích thước:  đường kính 35 × dày 5 mm 

Mặt nạ giữ mẫu rắn  (P/N 202-89038-XX)

Cốc  giữ  mẫu /Bộ  nạp  mẫu tự  động

Cốc giữ mẫu rắn  (P/N 212-20890-01)

TR-1000S Automatic Bead
Fusion Furnace

Sample Polishing Machine
(with dust collector)

Effective for minimizing the effects of thermal 
history and mineralogical effects in ores, rocks, 
clays, and soils. Also useful for cement or ceramic 
engineering and for producing glass beads from 
iron ores and sintered ores.

Either of the following sample containers is 
additionally required:
• Sample container made of tungsten carbide (used 
for analyses with Fe as a target element)
• Sample container made of chrome steel(used for 
analyses without Fe as a target element)
• Order the container separately.
• Indicate the power supply cycle (Hz) required.

Máy ép bánh MP-35H Cốc ép bánh (Số 9)
(P/N 200-34844-59) 500 chiếc./bộ

Sử dụng cho mẫu bột

TI-100 Vibration Mill

Sample container

Either of the following sample containers is additionally required.
• Sample container made of tungsten carbide 
 (Used for analyses with Fe as a target element)
• Sample container made of chrome steel
 (used for analyses without Fe as a target element)
Order the container separately.

Mill main unit and timer

10 mL × 2

Single-phase 100 V ±10 %, 50/60 Hz, 2 A

W580 × D620 × H400 mm

70 kg

Standard content

Inner volume

Power requirements

Dimensions

Weight

Used to mix or grind samples such as slag, cement, 
ore, glass, and ferroalloy.

Notes:
• Other: A high-frequency induction heating type or a gas burner type automatic glass bead preparation device is available.
• Some options with no P/N are listed as an example. Please contact your Shimadzu representative for more information.

Lưu ý: Một sô tùy chọn không có P/N được liệt kê. Vui lòng liên hệ với đại diện của Shimdazu để biết thêm thông tin.

Polishing unit

Platinum crucible

Tongs

Glass bead

The following accessories are required for glass 
bead manufacturing.
• Platinum crucible with lid
• Tongs for crucible
• Crucible polishing unit
• Flux

1000 °C normally, 1100 °C at the maximum

Electric furnace with automatic stirrer

7 to 15 minutes

3-phase 200 V ±10 %, 50/60 Hz, 22.5 A

W1215 × D800 × H1350 mm

About 460 kg

Fusion temperature

Heating method

Sample preparation time

Power requirements

Dimensions

Weight

3ø ±200V 50/60Hz,

5.6/5.4 A

W441 × D680 × H883 mm

97 kg 

Power requirements

Dimensions

weight

Hoạt động

Phương pháp ép

Áp suất lớn nhất

Cài đặt áp suất 

Đầu ép

Nguồn điện

Kích thước

Trọng lượng

Tự động

Thủy lực

350 kN

Sử dụng van, tùy ý

Loại phẳng

3ø 200V ±10%, 50/60 Hz, 3 A

W500 × D500 × H1,210 mm

240 kg

Đặt mẫu vào cốc hoặc vòng 
và nhấn

Phương pháp

Vật liệu Nhôm

(P/N  S202-82397-53  dia35mmø  500 pcs./set)

Nhựa VC

(P/N  S212-21654-01  dia35mmø  100 pcs./set)

(P/N  S212-21654-02  dia35mmø  500 pcs./set)

(P/N  S212-21654-05  dia22mmø  100 pcs./set)

(P/N  S212-21654-09  dia14mmø  100 pcs./set)

(P/N  S212-21654-10  dia14mmø  500 pcs./set)

(P/N  S212-21654-11  dia25mmø  100 pcs./set)

(P/N  S212-21654-12  dia25mmø  500 pcs./set)

Cốc Mẫu thành phẩm

Vật liệu
Kích thước

Thép
36.7 ø. x 11.3 mm cao

Mặt nạ có đường kính nhỏ hơn có sẵn cho các mẫu nhỏ hơn tiêu chuẩn.
(5, 10, 15, 20, 25mm ø)

Mặt nạ
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Sequential X-ray Fluorescence Spectrometer

Thuận tiện cho phân tích tự động nhiều mẫu.
     Nạp tối đa 40 mẫu.
     Hoạt động không cần người vận hành vào ban đêm.
     Gắn trên bàn máy, tiết kiệm diện tích.
     Nguồn điện từ máy chính.  

Instal lation example

External Dimensions

Laboratory

Temperature  
Humidity   
Vibration   
Space 

18 to 28°C
Below 75%
Unnoticeable
3 × 4 m or larger

PR Gas

Flow rate
5 mL/min.
Pressure release valve is provided.
Please prepare the PR gas in the customer.

Important safety items are indicated by 
warning labels.  

Cooling Water

X-ray tube
Cooling water

External 
cooling water
Water quality

Supply pressure
Drain

For cooling the X-ray tube
7 liters of distilled water, replaced every 4 to 
6 months
Fill into X-ray tube cooling unit tank.
For cooling the X-tube cooling water and 
high-pressure tank.
Tap water or industrial water of the same 
quality.
0.15 MPa to 0.3 MPa (1.5 to 3.0 kgf/cm2)
Free flow

W1770 × D1080 × H1350 mm
760 kg (including workstation)

Dimensions   
Weight 

Heat generation

Note: The entrance of the lab should be more than 1,100 wide and 1,700 mm high. If it is 
          less wide than 1,100 mm, dismount the table to make its depth about 720 mm.

Flow rate/
temperature

Water temp
Flow rate
(4 kW)

10°C
20
30

4 L/min
5.5
10

Flow rate
(3 kW)
3 L/min

4
8

Electric Shock Danger

Warning

Turn off power before 
opening the covers. 

4m

Bench for chemical
treatment

Glass bead fusion furnace

Switchboard

Briquet press

Mill

Sample
reception

Desk

Shelf

Water tap/
drain

Cooling
water

Air
conditioner

Power
source

Balance on 
bench

Cooling
Water
Circulator

Shelf

1770

1000

10
00

42
0

75

19
0

11
60

70
0

1770 1080

720942

80
0

1800

Unit: mm

Unit: mm

72
0

10
80

70
0

5m

4m

XRF-1800

XRF-1800 2.3 kw

Power requirements

1ø, 200/220V + 15% to -10%, 50/60 Hz
    4 kW X-ray tube:
    75A for maximum tube current of 140 mA
Note: High-frequency inverter type (option)
1ø, 200V +21% to -10%, 50/60 Hz
    4kW X-ray tube: 
    40A for maximum tube current of 150 mA
1ø, 200/220 V ± 10%, 50/60 Hz, 20A
Independent grounding line, less than 30 W

X-ray 

System
Grounding

1/2" valve
14 mm OD hose nipple

Note: No external cooling water is required if the optional Cooling 
         Water Circulator is used.

Faucet

Notice:
Since X-rays are used in the XRF-1800, check all local laws and regulations in advance.

Cốc giữ mẫu lỏng (cho không khí và khí Heli)

Giữ mẫu chất lỏng, như nước sông, nước 
thải nhà máy, nước thải chung, nước thải xử 
lý hóa học, dung dịch mạ, phân tích trong 
môi trường không khí hoặc heli.

Cốc giữ mẫu lỏng (môi trường chân không)

Giữ mẫu chất lỏng khi phân tích trong chân 
không. Bề mặt chiếu xạ được phủ bằng 
Berylium để giữ cho bề mặt chất lỏng ổn định, 
do đó đảm bảo độ ổn định khi phân tích.

Đây là thiết bị cung cấp nước làm mát cho ống phóng tia X khi không 
có nguồn cung cấp nước phù hợp.

Giấy lọc, giấy lọc trao đổi ion và cốc giữ 

sử dụng cốc giữ phía trong cho mỗi nhóm 
phân tích, dùng nhiều cốc giữ phía trong cho 
một cốc giữ phía ngoài.

Cốc giữ mẫu bên trong: P/N: 205-15110
Mylar, dày 6µm (P/N: 202-86501-56),
 (500 tấm/set)

Mặt trong: bằng nhựa
Mặt ngoài: thép không gỉ
đường kính 64. × 43mm cao

Vật liệu

Kích thước

Mylar

RKE1500B-V-G2-SP

Lưu ý: Lắp đặt với khoảng cách hợp lý từ máy chính do sinh nhiệt (khoảng 4,5kW)
• Sử dụng ở nhiệt độ môi trường từ 32 °C trở xuống.

5.3 kW (50/60 Hz)
(Nhiệt độ môi trường: 32 °C, nhiệt độ làm mát cài đặt: 20 °C)
Làm mát không khí cưỡng bức, hệ thống làm lạnh
3-pha 200 V ±10 % (50/60 Hz, 7.6/8.1 A)
W400 × D850 × H966 mm
100 kg (bể rộng, có bánh xe)

Công suất

Hệ thống làm mát
Nguồn điện
Kích thước
Trọng lượng

Nhỏ mẫu chất lỏng lên giấy lọc, làm khô và phân tích.
    Giấy lọc: P/N: 210-16043-50; 50 tấm/bộ
Nhỏ mẫu chất lỏng lên giấy lọc trao đổi ion, ngưng tụ, điều chỉnh pH và phân tích. Giấy lọc trao 
đổi ion có sẵn ba loại.

Bộ nạp mẫu tự động 40 mẫu ASF-40
(P/N 212-21100-92)

Thiết bị tuần hoàn nước làm mát P/N S239-15049-02

Lưu ý: Cần có cốc giữ giấy lọc (P/N: 205-15030) và cốc giữ mẫu rắn. Cốc giữ  
(P/N 205-15030)

Giấy lọc 
(P/N 210-16043-50)

Giấy lọc trao đổi ion
 (P/N 210-16167-01, 03)

Titan 
Mặt trong: 
Nhựa fluoro và thép không gỉ
Mặt ngoài:
Titan và thép không gỉ
đường kính 64 × 43mm cao 

Vật liệu mặt nạ
Vật liệu

Kích thước

Be và màng Mylar

P/N: 202-86996-03

• Màng Mylar
P/N: 202-86501-55  6µm  100 tấm / bộ

 P/N: 202-86501-56  6µm  500 tấm / bộ  

  P/ N: 202-86501-57  12µm  100 tấm / bộ

  P/N: 202-86501-58  25µm  100 tấm / bộ

• Màng Polypro  pylene
P/N: 219-82019-05  73mm  W × 92m cuộn

P/N: 205-11179

Cốc giữ bên ngoài
(P/N: 205-11179)

Cốc giữ bên trong
(P/ N: 205-15110)
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Convenient for the automatic analysis of many samples.
     Up to 40 samples can be loaded.
     Permits unmanned operation at night.
     Built into the instrument table. Occupies no extra space.
     Power supply from main instrument.  

Sơ đồ mẫu

Kích thước ngoài

Phòng lab
Nhiệt độ  
DĐộ ẩm
Rung động
Khoảng trống

18 tới 28°C
Dưới 75%
Nhỏ
3 × 4 m hoặc lớn hơn

PR Gas

Tốc độ dòng
5 mL/min.
Van xả áp suất được cung cấp.
Khách hàng tự chuẩn bị khí PR.

Cảnh báo an toàn được chỉ định bởi các 
nhãn cảnh báo.  

Nước làm mát

Ống phóng

Nước làm 
mát

Làm mát

Nước

Áp suất 
Cửa xả

Để làm mát ống phóng tia X
7l nước cất, thay thế sau 4-6 tháng
Đổ đầy vào bể làm mát ống phóng tia X

Để làm mát ống phóng tia X và bể cao áp

Nước máy hoặc nước công nghiệp có 
cùng chất lượng.
0.15 MPa tới 0.3 MPa (1.5 to 3.0 kgf/cm2)
Chảy tự do

W1770 × D1080 × H1350 mm
760 kg (bao gồm cả máy trạm)

Kích thước   
Trọng lượng 

Bộ sinh nhiệt

Lưu ý: Lối vào phòng lab nên rộng hơn W 1,100 x H 1,700 mm. 
           Nếu nhỏ hơn 1,100 mm, cần tháo bàn để tạo độ sâu 720 mm.

Tốc độ 
dòng chảy/
nhiệt độ

Nhiệt độ nước
Tốc độ dòng

(4 kW)
10°C
20
30

4 L/min
5.5
10

Tốc độ dòng
(3 kW)

3 L/min
       4

  8

 Sốc điện nguy hiểm

Cảnh báo

Tắt nguồn điện trước 
khi mở vỏ bảo vệ

4m

Ghế xử lý hóa chất

Lò nung hạt thủy tinh

Switchboard

Máy nén mẫu

Máy nghiền

Nhận
mẫu

Bàn

Kệ

Vòi xả
nước

Nước
làm mát

Điều hòa

Nguồn 
cấp

Cân trên 
bàn

Máy tuần 
hoàn nước 
làm mát

Kệ

1770
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0
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0
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XRF-1800 2.3 kW

Yêu cầu nguồn điện

1ø, 200/220V + 15% tới -10%, 50/60 Hz
    Ống phóng tia X 4 kW:
    75A với dòng tối đa 140 mA
Lưu ý: loại biến tần cao tần (tùy chọn)
1ø, 200V +21% to -10%, 50/60 Hz
    Ống phóng tia X 4kW: 
    40A với dòng tối đa 150 mA
1ø, 200/220 V ± 10%, 50/60 Hz, 20A
 Đường nối đất riêng, nhỏ hơn 30W

Tia X

Hệ thống
Nối đất

Vam 1/2"
Núm vặn 14 mm OD

Lưu ý: Không cần nước làm mát ngoài nếu bộ tuần hoàn nước 
làm mát được sử dụng.

Vòi nước

Chú ý:
Vì tia X được sử dụng trong XRF-1800, hãy kiểm tra trước tất cả các luật và quy định 
của nước sở tại.

Liquid Sample Holder (for air or helium atmosphere)

Holds a liquid sample, such as river water, 
factory waste water, general waste water, 
chemical treatment waste water, and plating 
solution, to be analyzed with an atmosphere of 
air or helium.

Liquid Sample Holder (for vacuum atmosphere)

Holds a liquid sample in vacuum during 
analysis. The irradiation surface is covered with 
beryllium to keep the liquid surface stable, 
hence high stability of analysis is ensured.

This is an external air-cooled water supply device used to supply cooled 
water to the X-ray tube when a suitable tap water supply is not available.

Spotting Filter Paper, Ion Exchange Filter 
Paper, and Holder

to use an outer container for each group of 
analyses, and to use more than one inner 
container for one outer container; this will 
enhance the analytical productivity.

Inner container: P/N: 205-15110
Mylar, 6µm thick (P/N: 202-86501-56),
 (500 sheets/set)

inner container: Fluoro-resin
outer container: Stainless steel
64dia. × 43mm high

Material

Dimensions

Mylar

RKE1500B-V-G2-SP

Note: Install it at a reasonable distance from the main unit as considerable calorific 
power (about 4.5 kW) is generated.
• Use at an ambient temperature of 32 °C or less.

5.3 kW (50/60 Hz)
(Ambient temperature: 32 °C, cooling water temperature setting: 20 °C)
Forced air cooling, refrigerating system
3-phase 200 V ±10 % (50/60 Hz, 7.6/8.1 A)
W400 × D850 × H966 mm
100 kg (water tank empty, with casters)

Cooling capacity

Cooling system
Power requirements
Dimensions
Weight

Drop a liquid sample on the filter paper, dry, and analyze.
    Filter paper: P/N: 210-16043-50; 50 sheets/set
Drop a liquid sample on the ion exchange filter paper, condense, adjust its pH, and analyze. The ion 
exchange filter paper is available in three types.

ASF-40 Autosample Feeder with 
40-sample Turret (P/N 212-21100-92)

Cooling Water Circulation Device P/N S239-15049-02

Note: A filter paper holder (P/N: 205-15030) and a solid sample holder are necessary. Holder  
(P/N 205-15030)

Filter paper  
(P/N 210-16043-50)

Ion exchange filter paper  
(P/N 210-16167-01, 03)

Titanium as standard 
inner container: 
Fluoro-resin and stainless steel
outer container:
Titanium and stainless steel
64dia. × 43mm high is recommended 

Mask material
Material

Dimensions

Be and Mylar film

P/N: 202-86996-03

• Mylar film
P/N: 202-86501-55  6µm  100 sheets / set
P/N: 202-86501-56  6µm  500 sheets / set
P/N: 202-86501-57  12µm  100 sheets / set
P/N: 202-86501-58  25µm  100 sheets / set

• Polypro pylene film
P/N: 219-82019-05  73mm  W × 92m roll

P/N: 205-11179

Outer container
(P/N: 205-11179)

Inner container
(P/N: 205-15110)




